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(57) 요약

새로운 액정표시장치를 개시한다. 상기 장치는 서로 대향하도록 배치되고 하나 이상의 기판 상부에 전극을 가지는 한쌍의

기판 및 상기 한쌍의 기판 사이에 협지되는 상기 네마틱 액정재료를 포함하고 블랙 상태에서 상기 네마틱 액정재료의 분자

가 상기 한쌍의 기판 표면에 거의 수직으로 배향되는 액정층을 포함하는 액정셀; 상기 액정셀이 그 사이에 위치하도록 배

치된 제 1 ,제 2 편광필름; 및 2개 이상의 광학 이방성필름으로서, 상기 액정층과 상기 제 1 ,제 2 편광필름 사이에 각각 배

치된 광학 이방성필름으로 구성되고,

여기서, 상기 액정층의 두께를 d (nm) 로, 상기 액정층의 파장 λ에서의 굴절률 이방성을 △n(λ)로, 그리고 상기 광학 보상

필름의 파장 λ에서의 면내 리타데이션을 Re(λ)로 가정할 때, 380nm 내지 780nm의 파장범위에서의 2개 이상의 다른 파장

에서 하기 관계식 (Ⅰ) 내지 (Ⅵ)를 만족한다: (Ⅰ) 200 ≤△n(λ)×d≤1000; (Ⅱ) Rth(λ)/λ=A×△n(λ)×d/λ+B; (Ⅲ) Re(λ)

/λ=C×λ/{△n(λ)×d}+D; 및 (Ⅳ) 0.488≤A≤0.56, B=-0.0567, -0.041≤C≤0.016; 및 D=0.0939.

대표도

도 9
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특허청구의 범위

청구항 1.

서로 대향하도록 배치되고 하나 이상의 기판 상부에 전극을 가지는 한쌍의 기판, 및 상기 한쌍의 기판 사이에 협지되는 상

기 네마틱 액정재료를 포함하고 블랙 상태에서 상기 네마틱 액정재료의 분자가 상기 한쌍의 기판 표면에 거의 수직으로 배

향되는 액정층을 포함하는 액정셀;

상기 액정셀을 사이에 끼우도록 배치된 제 1 ,제 2 편광필름; 및

2개 이상의 광학 이방성필름으로서, 각기 상기 액정층과 상기 제 1 ,제 2 편광필름의 각각 사이에 배치되는, 상기 2개 이상

의 광학 이방성필름을 포함하고,

여기서, 상기 액정층의 두께를 d (nm)로, 상기 액정층의 파장 λ (nm)에서의 굴절률 이방성을 △n(λ)로, 그리고 상기 광학

보상필름의 파장 λ에서의 면내 리타데이션을 Re(λ)로 가정할 때, 380nm 내지 780nm의 파장범위에서의 2개 이상의 다른

파장에서 하기 관계식 (Ⅰ) 내지 (Ⅵ):

(Ⅰ) 200 ≤△n(λ)×d≤1000;

(Ⅱ) Rth(λ)/λ=A×△n(λ)×d/λ+B;

(Ⅲ) Re(λ)/λ=C×λ/{△n(λ)×d}+D; 및

(Ⅳ) 0.488≤A≤0.56, B=-0.0567, -0.041≤C≤0.016; 및 D=0.0939 을 만족하는, 액정표시장치.

청구항 2.

제 1 항에 있어서,

상기 광학 보상필름의 면내 지상축과, 상기 광학 보상필름에 보다 근접하게 배치된 상기 제 1 ,제 2 편광필름 중 어느 하나

의 투과축이 실질적으로 서로 평행하는, 액정표시장치.

청구항 3.

제 1 항에 있어서,

50nm 이상 차이나는 2개 이상의 파장에서 상기 관계식 (Ⅰ) 내지 (Ⅵ)을 만족하는, 액정표시장치.

청구항 4.

제 1 항에 있어서,

450nm, 550nm 및 650nm의 모든 파장에서 상기 관계식 (Ⅰ) 내지 (Ⅵ)을 만족하는, 액정표시장치.

청구항 5.

제 1 항에 있어서,
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VA모드를 채용하는, 액정표시장치.

청구항 6.

서로 대향하도록 배치되고 하나 이상의 기판 상부에 전극을 가지는 한쌍의 기판, 및 상기 한쌍의 기판 사이에 협지되는 상

기 네마틱 액정재료를 포함하고 블랙 상태에서 상기 네마틱 액정재료의 분자가 상기 한쌍의 기판 표면에 거의 수직으로 배

향되는 액정층을 포함하는 액정셀;

상기 액정셀을 사이에 끼우도록 배치된 제 1 ,제 2 편광필름; 및

상기 제 1 ,제 2 편광필름 중 하나와 상기 액정층 사이에 배치된 광학 이방성필름을 포함하고,

여기서, 상기 액정층의 두께를 d (nm)로, 상기 액정층의 파장 λ에서의 굴절률 이방성을 △n(λ)로, 그리고 상기 광학 보상

필름의 파장 λ(nm)에서의 면내 리타데이션을 Re(λ)로 가정할 때, 380nm 내지 780nm의 파장범위에서의 2개 이상의 다른

파장에서 하기 관계식 (Ⅴ) 내지 (Ⅷ):

(Ⅴ) 200 ≤△n(λ)×d≤1000;

(Ⅵ) Rth(λ)/λ=E×△n(λ)×d/λ;

(Ⅶ) Re(λ)/λ=F×λ/{△n(λ)×d}+G; 및

(Ⅷ) 0.726≤E≤0.958, 0.0207≤F≤0.0716; 및 G=0.032 을 만족하는, 액정표시장치.

청구항 7.

제 6 항에 있어서,

상기 광학 보상필름에 인접하지 않는 제 1 ,제 2 편광필름 중 하나와 상기 액정셀 사이에 투명 필름을 더 포함하고,

상기 투명 필름의 두께 방향 리타데이션 Rth는 0nm≤Rth＜60nm를 만족하는, 액정표시장치.

청구항 8.

제 6 항에 있어서,

상기 광학 보상필름의 면내 지상축과, 상기 광학 보상필름에 보다 근접하게 배치된 제 1 ,제 2 편광필름 중 어느 하나의 투

과축이 실질적으로 서로 평행하는, 액정표시장치.

청구항 9.

제 6 항에 있어서,

50nm 이상 차이나는 2개 이상의 파장에서 상기 관계식 (Ⅴ) 내지 (Ⅷ)을 만족하는, 액정표시장치.

청구항 10.
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제 6 항에 있어서,

450nm, 550nm 및 650nm의 모든 파장에서 상기 관계식 (Ⅴ) 내지 (Ⅷ)을 만족하는, 액정표시장치.

청구항 11.

제 6 항에 있어서,

VA모드를 채용하는, 액정표시장치.

명세서

기술분야

본 발명은 시야각 특성이 향상된 액정표시장치에 관한 것이다.

배경기술

액정표시장치는 액정셀과 편광판을 포함한다. 편광판은 보통 보호필름 및 편광필름을 가지고, 상기 편광판은 통상 폴리비

닐 알콜 필름으로 구성된 편광필름을 요오드로 염색하고, 연신하며, 그 양 표면에 편광필름을 적층함으로써 얻어진다. 투

과형 액정표시장치는 통상 액정셀 양면에 구비된 편광판을 포함하고, 경우에 따라서 하나 이상의 광학 보상필름을 포함한

다. 반사형 액정표시장치는 반사판, 액정셀, 하나 이상의 광학 보상필름, 및 편광판을 순서대로 포함한다. 액정셀은 액정성

분자, 상기 액정성 분자를 밀봉하는 2개의 기판, 및 상기 액정성 분자에 전압을 인가하는 전극층을 포함한다. 액정셀은 액

정성 분자의 배향 상태의 변화에 따라 온 및 오프 표시를 스위칭하고, 투과형 및 반사형 모두에 적용가능하며, 그 중에서

제안된 표시 모드는 TN (twisted nematic), IPS (in-plane switching), OCB (optically compensatory bend) 및 VA

(vertically aligned), 그리고 ECB (electrically controlled birefringence) 를 포함한다.

이러한 LCD 중에서, 고 선명도 표시를 요구하는 용도에 가장 널리 사용되는 것은, 양의 유전 이방성 (positive dielectric

anisotropy) 의 네마틱 액정 분자를 사용하는 90° 트위스트된 네마틱 액정 디스플레이 (이하, "TN 모드"라 함) 이며, 이는

박막트랜지스터에 의해 구동된다. TN 모드는 정면에서는 우수한 표시 특성을 가지지만, 비스듬한 방향에서 보는 경우 콘

트라스트가 떨어지거나 또는 계조이미지에서 휘도가 반전되는 계조반전이 일어나는 것에 의해 디스플레이 특성이 저하되

는 시야각 특성을 가지며, 이것의 개선이 강하게 요망되고 있다.

최근, 시야각 특성을 향상시킬 수 있는 LCD 모드로서, 음의 유전 이방성을 가지는 네마틱 액정이 사용되는 수직 배향 네마

틱 액정표시장치 (이하, "VA 모드"라 함) 가 제안되어 왔으며, 상기 액정분자는 전압 무인가시 그 장축이 기판에 거의 수직

이 되도록 배향되며 박막트랜지스터에 의해 구동된다 (일본 공개 특허 공보 평 2-176625 참조). VA 모드는 TN 모드와 마

찬가지로 정면에서의 표시 특성이 우수할 뿐만 아니라, 시야각 보상을 위한 리타데이션 필름을 채용함으로써 광시약각 특

성을 발휘할 수 있다. VA 모드는 음의 일축 리타데이션 필름을 2개 사용하여, 액정셀의 상부면 및 하부면 상에서 그 광축

이 필름 표면에 수직하도록 함으로써 광시야각 특성을 얻을 수 있고, 그리고 50nm의 면내 리타데이션 값과 양의 굴절률 이

방성을 가지는 일축 배향 리타데이션 필름을 추가 적용함으로써 보다 넓은 시야각 특성을 얻을 수 있음이 또한 알려져 있

다 (SID 97 DIGEST, p.845-848 참조).

하지만, 2개의 리타데이션 필름을 사용하는 것 (SID 97 DIGEST, p.845-848) 은, 많은 필름을 접착시켜야 하므로 비용을

상승시킬 뿐만 아니라, 생산율을 떨어뜨리고, 복수개 필름의 사용은 두께를 증가시키는 문제를 야기하며 이것은 장치의 박

형화에 불리하다. 연신된 필름을 적층하기 위해 사용되는 접착층은 가변 온도 및 습도에서 수축할 수 있고, 필름의 박리 또

는 뒤틀림 (warping) 과 같은 불량을 야기할 수 있다. 이를 개선하기 위한 공지된 방법은 리타데이션 필름의 수를 저감시키

는 방법 (일본 공개 특허 공보 평 11-95208) 및 콜레스테릭 액정층을 사용하는 방법 (일본 공개 특허 공보 2003-15134,

일본 공개 특허 공보 평 11-95208) 을 포함한다. 하지만, 이러한 방법은 여전히 복수개의 필름을 접착시켜야 했고, 박형화

및 비용 저감 측면에서 만족스럽지 못했다. 블랙 상태시 편광판의 비스듬한 방향에서 나오는 빛샘을 가시광 영역에서 완전

히 억제할 수 없었고, 결과적으로 시야각을 완전히 개선시킬 수 없었다는 점에서 또다른 문제가 있었다. 그리고, 블랙 상태

시 가시광의 전 파장에 걸쳐 편광판에 비스듬히 입사하는 가시광을 완전히 보상하는 것 또한 어려웠고, 그 결과 시야각에
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따라 컬러가 쉬프트되었다. 또한, 빛샘을 줄이기 위해서 리타데이션 필름의 리타데이션 파장 분산을 제어하는 제안 (일본

공개 특허 공보 2002-221622) 이 있었으나, 이것은 빛샘을 저감시키는데 역부족이었다. 여전히 액정층의 복굴절률 변화

에 의한 영향이 충분히 고려되지 않아서, 상기 장치가 액정층의 복굴절률에 따른 충분한 효과를 얻지 못했다는 것이 또다

른 문제로 남아있다.

(발명의 요약)

본 발명의 일 목적은 액정표시장치, 특히 액정셀이 광학적으로 정확히 보상되어 높은 콘트라스트를 가지는 VA 모드 액정

표시장치를 제공하는 것이다. 더 구체적으로, 본 발명의 일 목적은 액정표시장치, 특히 블랙 상태에서 비스듬한 입사광의

빛샘이 없거나 작아서, 시야각 및 콘트라스트 면에서 개선된 VA 모드 액정표시장치를 제공하는 것이다.

본 발명의 제 1 실시형태는 서로 대향하도록 배치되고 하나 이상의 기판 상부에 전극을 가지는 한쌍의 기판, 및 상기 한쌍

의 기판 사이에 협지되는 상기 네마틱 액정재료를 포함하고 블랙 상태에서 상기 네마틱 액정재료의 분자가 상기 한쌍의 기

판 표면에 거의 수직으로 배향되는 액정층을 포함하는 액정셀과,

상기 액정셀을 사이에 끼우도록 배치된 제 1 ,제 2 편광필름과, 그리고

2개 이상의 광학 이방성필름으로서, 각기 상기 액정층과 상기 제 1 ,제 2 편광필름의 각각 사이에 배치되는, 상기 2개 이상

의 광학 이방성필름을 포함하고,

여기서, 상기 액정층의 두께를 d (nm) 로, 상기 액정층의 파장 λ (nm) 에서의 굴절률 이방성을 △n(λ)로, 그리고 상기 광학

보상필름의 파장 λ에서의 면내 리타데이션을 Re(λ)로 가정할 때, 380nm 내지 780nm의 파장범위에서의 2개 이상의 다른

파장에서 하기 관계식 (Ⅰ) 내지 (Ⅵ):

(Ⅰ) 200 ≤△n(λ)×d≤1000;

(Ⅱ) Rth(λ)/λ=A×△n(λ)×d/λ+B;

(Ⅲ) Re(λ)/λ=C×λ/{△n(λ)×d}+D; 및

(Ⅳ) 0.488≤A≤0.56, B=-0.0567, -0.041≤C≤0.016; 및 D=0.0939 을 만족하는, 액정표시장치에 관한 것이다.

상기 광학 보상필름의 면내 지상축과, 상기 광학 보상필름에 보다 근접하게 배치된 상기 제 1 ,제 2 편광필름 중 어느 하나

의 투과축이 실질적으로 서로 평행한 것이 바람직하다.

상기 관계식 (Ⅰ) 내지 (Ⅵ)은 바람직하게 50nm 이상 차이나는 2개 이상의 파장에서 만족되고, 그리고 450nm, 550nm 및

650nm의 모든 파장에서 만족된다.

본 발명의 제 2 실시형태는 서로 대향하도록 배치되고 하나 이상의 기판 상부에 전극을 가지는 한쌍의 기판, 및 상기 한쌍

의 기판 사이에 협지되는 상기 네마틱 액정재료를 포함하고 블랙 상태에서 상기 네마틱 액정재료의 분자가 상기 한쌍의 기

판 표면에 거의 수직으로 배향되는 액정층을 포함하는 액정셀과,

상기 액정셀을 사이에 끼우도록 배치된 제 1 ,제 2 편광필름과, 그리고

상기 제 1 ,제 2 편광필름 중 하나와 상기 액정층 사이에 배치된 광학 이방성필름을 포함하고,

여기서, 상기 액정층의 두께를 d (nm)로, 상기 액정층의 파장 λ(nm)에서의 굴절률 이방성을 △n(λ)로, 그리고 상기 광학

보상필름의 파장 λ에서의 면내 리타데이션을 Re(λ)로 가정할 때, 380nm 내지 780nm의 파장범위에서의 2개 이상의 다른

파장에서 하기 관계식 (Ⅴ) 내지 (Ⅷ):

(Ⅴ) 200 ≤△n(λ)×d≤1000;

(Ⅵ) Rth(λ)/λ=E×△n(λ)×d/λ;
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(Ⅶ) Re(λ)/λ=F×λ/{△n(λ)×d}+G; 및

(Ⅷ) 0.726≤E≤0.958, 0.0207≤F≤0.0716; 및 G=0.032 을 만족하는, 액정표시장치에 관한 것이다.

제 2 실시예에 의한 액정표시장치는 상기 광학 보상필름에 인접하지 않는 상기 제 1 ,제 2 편광필름 중 하나와 상기 액정셀

사이에 투명 필름을 더 포함한다. 상기 투명 필름의 두께 방향 리타데이션 Rth는 0nm≤Rth＜60nm를 만족한다.

제 2 실시예에서, 상기 광학 보상필름의 면내 지상축과, 상기 광학 보상필름에 보다 근접하게 배치된 제 1 ,제 2 편광필름

중 어느 하나의 투과축이 실질적으로 서로 평행하는 것이 바람직하다.

제 2 실시예에서, 상기 관계식 (Ⅴ) 내지 (Ⅷ)은 바람직하게 50nm 이상 차이나는 2개 이상의 파장에서 만족되고, 그리고

450nm, 550nm 및 650nm의 모든 파장에서 만족된다.

본 명세서 내용에서 "평행", "직교" 및 "수직"은 정확한 각도에 대해 ±5° 미만의 오차를 허용한다. 정확한 각도로부터의 오

차는 4°미만인 것이 바람직하고, 3°미만인 것이 보다 바람직하다. 각도와 관련하여, "+"는 시계방향이고, "-"는 반시계방

향이다. "지상축 (slow axis)"은 굴절률이 최대가 되는 방향을 의미한다. "가시광 영역"은 380~780nm의 파장 범위를 뜻한

다. 달리 구체적으로 언급되지 않는 한, 굴절률에 대한 측정파장은 가시광 영역에서 λ=550nm이다.

본 명세서에서 "편광판"은 액정에 채용되기에 적당한 크기의 편광판 뿐만 아니라, 절단되기 이전의 길이가 긴 편광판을 의

미한다. 본 명세서에서, "편광필름"은 "편광판"과 구별되고, "편광판" 이라는 용어는 "편광필름"과 그 위에 구비된 하나 이

상의 보호필름을 포함하는 임의의 적층체에 대해 사용된다.

본 명세서에서, 폴리머 필름의 Re, Rth 는 각각, 파장 λ에서의 면내 리타데이션 및 두께 방향의 리타데이션을 나타낸다.

Re(λ)는 필름 표면에 대해 법선 방향으로 λ㎚ 의 광을 입사시키면서 KOBRA-21ADH (Oji Scientific Instruments 제조)

를 사용하여 측정된다. Rth(λ)는 3개의 리타데이션 값, 가상의 평균 굴절률 및 필름의 입력된 두께 수치를 기반으로

KOBRA-21ADH를 사용하여 추정되는데; 여기서 3개의 리타데이션 값 중, 제 1 은 상기에서 얻어진 Re(λ)이고, 제 2 는

틸트축 (회전축) 으로서, KOBRA-21ADH에 결정되는, 면내 지상축 주변의 필름 법선 방향에 대해 +40°회전된 방향으로

파장 λ㎚의 광이 입사하는 동안 측정된 리타데이션이며, 제 3 은 경사축 (회전축) 으로서 면내 지상축 주변의 필름 법선 방

향에 대해 -40°회전된 방향으로 파장 λ㎚의 광이 입사하는 동안 측정된 리타데이션이다. 다양한 물질의 평균 굴절률은 "

폴리머 핸드북" (JOHN WILEY & SONS, INC) 및 카달로그와 같은 공개 문서에 기재된다. 수치가 공지되지 않는다면, 아

베 (abbe) 굴절계 등으로 그 수치를 측정할 수 있다. 주요 광학 필름의 평균 굴절률은 하기에 예시된다:

셀룰로오즈 아실레이트 (1.48), 사이클로 올레핀 폴리머 (1.52), 폴리카보네이트 (1.59), 폴리메틸 메타크릴레이트 (1.49),

폴리스티렌 (1.59).

가상의 평균 굴절률 및 두께 수치가 KOBRA-21ADH에 입력될 때, nx, ny 및 nz가 산출된다. 그리고, 추정된 nx, ny 및 nz

를 기반으로, (nx-nz)/(nx-ny)인 Nz가 산출된다.

본 발명에 의해, 필름을 제조하기 위한 물질 또는 방법을 적절히 선택함으로써, 광학 보상필름의 면내 리타데이션와 두께

방향 리타데이션이 각각 최적 범위 내에서 적절히 조절된다. 따라서, 그와같은 광학 보상필름은, 특히, 가시광 영역의 전

범위에 걸쳐서 블랙 상태에서의 VA모드 액정셀의 시야각을 보상할 수 있다. 본 발명의 액정표시장치는 블랙 상태에서 비

스듬한 입사광의 빛샘을 거의 발생시키지 않거나 또는 조금 발생시키고, 임의의 파장에서 시야각-콘트라스트 면이 크게

개선된다. 본 발명의 액정표시장치는 또한 액정층의 복굴절성이 변하는 경우일지라도, 가시광 영역의 임의 파장에서 블랙

상태에서의 비스듬한 입사광의 빛샘을 거의 발생시키지 않거나 또는 조금 발생시킨다.

발명의 상세한 설명

이하, 첨부된 도면을 참고로 하여, 본 발명의 동작을 설명할 것이다.

도 1은 일반적인 VA 모드 액정표시장치의 구성을 나타낸 개략도이다. VA 모드 액정표시장치는 액정분자가 전압 무인가

시 또는 블랙 상태에서 기판 표면에 대해 수직으로 배향하는 액정층을 가지는 액정셀 (3) 과, 그 사이의 액정셀을 유지하기

위해서 배치되고, 각 투과축 (도 1에서 스트라이프로 나타냄) 이 서로 직교하는 편광판 (1) 및 편광판 (2) 를 포함한다. 도
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1은 입사광이 편광판 (1) 측으로부터 입사하도록 표현된다. 전압 무인가시, 정상 입사광 또는 z-축 방향의 입사광은 선형

편광 상태가 바뀌지 않은 상태로 편광판 (1) 및 액정셀 (3) 을 통과하고, 편광판 (2) 에 의해 완전히 차단된다. 그 결과 높은

콘트라스트 이미지가 표시된다.

하지만, 도 2에 도시된 바와 같이 비스듬한 입사광에 대해서는 상황이 다를 것이다. z-축 방향과 다른 방향, 즉, 편광판 (1,

2) 에 의해 편광방향으로부터 떨어져 기울어진 방향 (소위, 축에서 벗어난 방향) 으로 입사하는 광이 액정셀 (3) 의 수직 배

향 액정층을 통과할 때, 광은 비스듬한 방향의 리타데이션에 의해 영향받으며, 그 편광 상태가 변화한다. 게다가, 편광판

(1) 및 편광판 (2) 의 겉보기 투과축이 수직한 배치로부터 쉬프트한다. 상기 2가지 요인 때문에, 편광판 (2) 은 축에서 벗어

난 입사광을 완전히 차단할 수 없고, 그것에 의해 빛샘이 야기되고 콘트라스트가 저하된다.

이제 극각 (polar angle) 및 방위각이 정의될 것이다. 극각은 필름 표면 상의 법선 방향, 즉, 도 1 및 도 2에서의 z-축으로

부터 떨어진 입사각이고, 그 결과 필름 표면 상의 법선 방향은, 예를 들어, 극각=0°의 방향에 놓인다. 방위각은 x-축 양의

방향을 기준으로 반시계 방향으로 회전되는 거동을 표현하고, 예를 들어, x-축 양의 방향이 방위각=0°로 표현될 수 있고,

y-축 양의 방향이 방위각=90°로 표현될 수 있다. 상술한 비스듬한 방향, 축에서 벗어난 상태는 주로 0°가 아닌 극각 및 방

위각=45°, 135°, 225° 및 315°로 표현되는 방향을 말한다.

도 3은 본 발명의 일 실시형태의 동작을 설명하기 위한 예시적인 구성의 개략도를 나타낸다. 도 3에 도시된 액정표시장치

는, 도 1에 도시된 구성에 추가하여, 액정셀 (3) 과 편광판 (1) 사이에 배치된 광학 보상필름 (4) 과, 액정셀 (3) 과 편광판

(2) 사이에 배치된 광학 보상필름 (5) 을 더 포함한다. 액정셀의 액정층의 두께 d (단위 "nm", 이하 동일하게 적용함) 및 파

장 λ (단위 "nm", 이하 동일하게 적용함) 에서의 굴절률 이방성 △n(λ)을 가지는 이 실시형태의 액정표시장치에서, 광학 보

상필름 (4, 5)의 파장 λ에서의 면내 리타데이션 Re(λ) 및 두께방향 리타데이션 Rth(λ)는 380nm 내지 780nm 사이의 파장

범위에서의 2개 이상의 다른 파장에서 하기 식 (Ⅰ) 내지 식 (Ⅳ)를 만족한다:

(Ⅰ) 200 ≤△n(λ)×d≤1000;

(Ⅱ) Rth(λ)/λ=A×△n(λ)×d/λ+B;

(Ⅲ) Re(λ)/λ=C×λ/{△n(λ)×d}+D; 및

(Ⅳ) 0.488≤A≤0.56, B=-0.0567, -0.041≤C≤0.016; 및 D=0.0939.

도 4는 본 발명의 다른 실시형태의 동작을 설명하기 위한 예시적인 구성의 개략도를 나타낸다. 도 4에 도시된 액정표시장

치는, 도 1에 도시된 구성에 추가하여, 액정셀 (3) 과 편광판 (1) 사이에 배치된 광학 보상필름 (6) 을 더 포함한다. 광학 보

상 필름은 액정셀 (3) 과 편광판 (2) 사이에 배치될 수 있다. 액정셀의 액정층의 두께 d (단위 "nm", 이하 동일하게 적용함)

및 파장 λ (단위 "nm", 이하 동일하게 적용함) 에서의 굴절률 이방성 △n(λ)을 가지는 이 실시형태의 액정표시장치에서, 광

학 보상필름 (4, 5)의 파장 λ에서의 면내 리타데이션 Re(λ) 및 두께방향 리타데이션 Rth(λ)는 380nm 내지 780nm 사이의

파장 범위에서의 2개 이상의 다른 파장에서 하기 식 (Ⅴ) 내지 식 (Ⅷ)를 만족한다:

(Ⅴ) 200 ≤△n(λ)×d≤1000;

(Ⅵ) Rth(λ)/λ=E×△n(λ)×d/λ;

(Ⅶ) Re(λ)/λ=F×λ/{△n(λ)×d}+G; 및

(Ⅷ) 0.726≤E≤0.958, 0.0207≤F≤0.0716; 및 G=0.032.

본 발명에서, 액정층과 관계식 (Ⅰ) 내지 (Ⅳ) 또는 관계식 (Ⅴ) 내지 식 (Ⅷ) 중 하나의 세트를 만족하는 광학 보상필름의

조합은, 비록 광이 비스듬한 방향에서 입사되더라도, 가시광 영역에서의 소정 파장을 가지는 광에 채용된 지상축과 리타데

이션에 기초하여 광학 보상 수행을 가능하게 한다. 따라서, 종래 액정표시장치와 비교하여, 블랙 상태에서의 광학 콘트라

스트를 선명하게 향상시키는 것과, 블랙 상태에서의 시야각-변색을 두드러지게 완화하는 것 또한 가능하다. 액정표시소자

는 2개 이상의 파장에서 관계식 (Ⅰ) 내지 (Ⅳ), 또는 관계식 (Ⅴ) 내지 (Ⅷ)를 만족한다. 관계식 (Ⅰ) 내지 (Ⅳ) 또는 관계식

(Ⅴ) 내지 (Ⅷ)이, 편차가 50nm 이상 되는 2개 이상의 파장에서 만족되는 것이 바람직하다. 상술한 관계식을 만족하는 파

장은 액정표시장치의 사용 목적에 따라서 달라질 것이며, 표시 특성에 가장 크게 영향을 주는 파장과 파장범위가 선택될

것이다. 통상, 액정표시장치는 바람직하게 파장 650nm, 550nm 및 450nm에서 관계식 (Ⅰ) 내지 (Ⅳ), 또는 관계식 (Ⅴ) 내
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지 (Ⅷ)를 만족하며, 그것은 적색 (R), 녹색 (G), 청색 (B) 의 3개 주요색에 대응되는 파장이다. R ,G 및 B에 대한 파장이 상

술된 파장으로 항상 표현되는 것이 아니라, 본 발명의 효과를 나타내는 광학 특성을 구체화하기 위한 적절한 파장으로 간

주된다.

이하, 본 발명에서의 보상의 원리를 상세히 기술할 것이다.

본 발명의 일 특징은 Re/λ 및 Rth/λ의 범위에 존재하며, 그것은 리타데이션과 파장의 비이다. Re/λ 및 Rth/λ는 복굴절률

의 크기를 표현하고, 편광 상태의 변화에서 상을 결정하는 중요 변수이다. 또한, Re/λ 및 Rth/λ의 Re/Rth비는 이축 복굴절

매체를 통해서 비스듬히 전파되는 광에서 2개 축의 고유 편광을 결정한다. 도 5는, 광이 이축 복굴절 매체에 비스듬히 입사

하는 경우에 측정된, 2개의 고유 편광축 중에서 하나의 각과 Re/Rth 사이의 관계에 대한 예시적인 결과를 도시한다. 광 전

파 방향이 방위각=45° 및 극각=34°를 가지는 것으로 가정되었다. 도 5에 도시된 결과로부터, Re/Rth가 주어진다면, 고유

편광의 일축이 자동적으로 결정된다는 것이 밝혀졌다. Re/λ 및 Rth/λ는 또한 2개 고유 편광의 변화하는 상으로서의 기능

을 한다.

종래 기술에서, VA모드 셀을 보상하는 필름의 파장 분산이 Re, Rth 및 Re/Rth에 의해 결정되었다. 반면에, 본발명은 파장

λ에서, Re, Rth 및 Re/Rth 등의 수치를 사용하는 대신에 변수를 비차원화하기 위해서 Re/λ 및 Rth/λ에 초점을 맞춤으로써

VA모드 셀이 보상될 수 있다는 새롭게 구축된 원칙에 기초한다. 또한 발명자는 보상되어야 하는 액정층의 볼굴절 △nd에

서의 파장 분산을 고려했고, 광학 보상필름의 Re 및 Rth의 파장 분산과 보상되어야 하는 액정층의 볼굴절 △nd에서의 파

장 분산 사이에서의 관계에 대해 광범위하게 조사했으며, 관계식 (Ⅰ) 내지 (Ⅳ), 또는 관계식 (Ⅴ) 내지 (Ⅷ)을 만족할 때,

액정표시장치의 시야각 특성이 두드러지게 향상될 수 있음이 밝혀졌다. 관계식 (Ⅰ) 내지 (Ⅳ), 또는 관계식 (Ⅴ) 내지 (Ⅷ)

을 만족하는 본 발명의 액정표시장치는, 광이 비스듬한 방향으로부터 입사되고 그 결과 액정층의 비스듬한 방향에서의 리

타데이션에 의해 영향받는다는 것과 상부 및 하부 편광판 한쌍의 겉보기 투과축이 불일치 배열된다는 2개의 조건하에서

일지라도, 액정셀의 정확한 광학 보상을 보장할 수 있고, 콘트라스트 저하를 피할 수 있다.

VA모드 셀은 전압 무인가시 또는 블랙 상태에서 수직으로 배열된 액정분자를 포함하며, 블랙 상태시 법선 방향으로부터

입사되는 광의 편광 상태를 광학 보상필름의 리타데이션에 의해 영향받는 것을 방지한다는 관점에서, 광학 보상필름의 면

내 지상축이 상기 광학 보상필름에 보다 근접하게 배치된 편광판의 투과축에 수직하거나 또는 평행하는 것이 바람직하다.

도 6은 푸앵카레 스페어를 사용하여 도 3에 도시된 실시형태에서의 보상 메카니즘을 설명하는 도면을 도시한다. 여기서,

광전파 방향은 방위각=45° 및 극각=34°로 표현된다. 도 6에서, 축 S2는 지면 측에서 아래로 시트를 수직하게 통과하고,

도 6은 축 S2의 양 방향에서 보는 도면이다. 비록 2차원으로 표현된 도 6이 도면에서 직선화살을 사용하여 편광 상태에서

의 각 변화 전후 포인트의 이동을 나타내더라도, 액정층 또는 광학 보상필름을 통과하는 것에 의해 야기되는 광의 편광상

태에서의 임의의 실제 변화는, 각 광학 특성에 대응하여 결정되는 특정축 주변의 특정각으로의 회전에 의해 퓨앵카레 스페

어 상에 표현될 수 있다.

도 3에 도시된 편광판 (1) 을 통과한 입사각의 편광상태는 도 6의 포인트 1에 대응하고, 도 3에 도시된 편광판 (2) 의 흡수

축에 의해 차단된 광의 편광상태는 도 6에서 포인트 2에 대응한다. VA모드 액정표시장치에서, 비스듬한 방향에서의 축을

벗어난 빛샘은 포인트 1 및 포인트 2 사이의 불일치에 기인한다. 광학 보상필름은, 액정층의 편광상태 변화를 포함하여, 보

통 포인트 1에서 포인트 2로 입사광의 편광상태의 변화를 야기하는데 사용된다. 액정셀 (3) 의 액정층은 양의 굴절률 이방

성을 가지고 수직 배향을 채용하며, 그 결과 액정층을 통과하는 것에 의해 야기된 입사광의 편광상태 변화가, 도 6에 도시

된 바와 같이, 퓨앵카레 스페어 상에서 하향하는 화살로 표현되며, 그것은 축 S2를 둘러싼 회전 (포인트 A네서 포인트 B까

지의 회전) 을 나타낸다. 여기서 회전각은 파장λ에서, 비스듬한 방향에서의 액정층의 유효 리타데이션을 파장으로 나눈 것

에 의해 얻어진 수치 △n'd'/λ에 비례한다. 액정층을 보상하기 위해서, 본 발명의 실시형태는 광학 보상필름 (4, 5) 를 채용

한다. 광학 보상필름 (4, 5) 과 관련된 상향 화살의 길이 (도면에서 포인트 A 방향으로의 포인트 1로부터의 화살 길이, 및

포인트 2 방향으로의 포인트 B로부터의 화살길이), 또는 회전각은 광학 보상필름 (4, 5) 의 각 Rth /λ 에 거의 비례하며, 각

화살의 회전축은 상술한 바와 같이 Re/Rth에 의해 결정된다. 광학 보상필름 (4, 5)의 도움으로 큰 값의 △n'd'/λ를 가지는

액정층을 포함하는 VA모드 액정셀의 성공적인 광학 보상에 대해서, 포인트 1에서 포인트 A까지의 화살 길이와 포인트 B

에서 포인트 2까지의 화살 길이를 늘이기 위해서 광학보상필름 (4, 5) 의 Rth /λ를 증가시키는 것이 필수적이고, 그리고 포

인트 A를 향해 비스듬히 상향하는 포인트 1로부터의 화살과 포인트 2를 향해 비스듬히 상향하는 포인트 B로부터의 화살

을 더 경사지게 하기 위해서 광학 보상필름 (4, 5) 의 Re/Rth를 감소시키는 것, 즉, Re/λ를 감소시키는 것이 필수적임이 도

6으로부터 이해할 수 있다. 이 실시형태에서, 광학 보상필름의 Re/λ 및 Rth /λ는, 정확한 광학 보상을 보장하기 위해서, 조

건적으로 관계식 (Ⅰ) 내지 (Ⅳ)를 만족하면서, 액정층의 △n'd'/λ에 따라 결정된다. 이 실시형태에서, 보상되어야 하는 액

정층의 파장 λ에서의 △nd와 λ가 주어진다면, △n'd'/λ가 결정되고, 이것은 상술한 관계식을 만족하는 Re/λ 및 Rth/λ를 나

타내는 광학 보상필름의 사용을 허용한다. 도 3에 도시된 실시형태는 상부면에 하나를 구비하고 하부면에 다른 하나를 구
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비하여 총 2개의 광학 보상필름을 채용한다. 상부 및 하부 광학 필름이 동일한 특성을 가지는 경우, 대칭에 기초하여, 액정

층에 대한 하향 화살이 퓨앵카레 스페어 상에서 S1=0을 통과하고, 그리고 액정층에 대한 하향 화살의 시작 포인트와 종결

포인트가 그 사이에 적도가 배치되는 퓨앵카레 스페어의 상부 반구과 하부 반구에 대칭적으로 존재함이 명백하다.

도 7은 퓨앵카레 스페어를 사용하여 도 4에 도시된 실시형태의 보상 메카니즘을 설명하는 도면이다. 도 6의 것과 동일한

참조번호로 주어진 포인트와 축은 상술한 것과 동일하며, 상세한 설명은 생략한다. 광학 보상필름 (6)의 도움으로 큰 값의

△n'd'/λ를 가지는 액정층을 포함하는 VA모드 액정셀의 성공적인 광학 보상에 대해서, 포인트 1에서 포인트 A까지의 화살

길이를 늘이기 위해서 광학보상필름 (6) 의 Rth /λ를 증가시키는 것이 필수적이고, 그리고 포인트 A를 향해 비스듬히 상향

하는 포인트 1로부터의 화살을 더 경사지게 하기 위해서 광학 보상필름 (6) 의 Re/Rth를 감소시키는 것, 즉, Re /λ를 감소

시키는 것이 필수적임이 도 7로부터 이해할 수 있다. 이 실시형태에서, 광학 보상필름의 Re/λ 및 Rth /λ는, 정확한 광학 보

상을 보장하기 위해서, 조건적으로 관계식 (Ⅴ) 내지 (Ⅷ)를 만족하면서, 액정층의 △n'd'/λ에 따라 결정된다. 이 실시형태

에서, 보상되어야 하는 액정층의 파장 λ에서의 △nd와 λ가 주어진다면, △n'd'/λ가 결정되고, 이것은 상술한 관계식을 만

족하는 Re/λ 및 Rth/λ를 나타내는 광학 보상필름의 사용을 허용한다.

도 7에 도시된 구성은 편광판 (2) 을 구성하는 편광필름을 위한 보호필름의 광학 특성은 고려되지 않으나, 편광필름을 위

한 보호필름으로서 사용되는 임의의 폴리머 필름에 의해 나타나는 두께 방향에서의 소정의 리타데이션 Rth는 광학 보상에

영향을 줄 수 있다. 도 8은 도 4에 도시된 실시형태에서 편광판 (2) 의 보호필름 (액정셀 (3) 측면 상에 배치된 보호필름)

이 두께 방향으로 Rth=38nm의 리타데이션을 가질 때의 광학 보상 메카니즘을 나타낸다. 보호필름을 통과하는 것에 의한

편광 상태의 변화를 나타내는 하향 회전 (포인트 B'로부터 포인트 2까지의 회전) 을 고려하면서, 액정셀 (3) 및 관계식 (Ⅴ)

내지 (Ⅷ) 를 만족하는 광학 보상필름 (6) 을 조합함으로써 정확한 광학보상이 보장된다. 이 실시형태에서, 광학 보상필름

에 인접하지 않은 편광판인, 편광판 (2) 의 액정셀 측 상에 배치된 보호필름의 두께 방향 리타데이션 Rth는 바람직하게

0~60nm이고 더 바람직하게 0~30nm이다.

상술한 바와 같이, 본 발명은 채용된 광원의 스펙트럼 범위와 스펙트럼 분포에 따라서, 소위 VA모드 액정층의 복굴절률

△nd 및 그것을 보상하기 위한 광학 필름의 Re/λ와 Rth/λ 사이의 관계식을 최적화한다. 하지만, 본 발명은 VA모드 셀의

광학 보상과 관련하여, 그 최적범위가 이론적으로 논의되고 명백화된다는 점에서, 종래기술과 다르다. 액정층과 광학 보상

필름의 조합은, 관계식 (Ⅰ) 내지 (Ⅳ), 또는 관계식 (Ⅴ) 내지 (Ⅷ) 를 만족하도록, 광학 보상필름의 파장 분산과 함께 액정

층의 파장 분산의 보상을 가능하게 한다. 결과적으로 VA모드 패널의 콘트라스트에 대한 시야각 의존성은 상당량 완화될

수 있다. 또한 임의의 파장 범위에 걸쳐 블랙 상태에서의 빛샘을 억제하는 것이 가능하며, 이것은 특정 파장 범위에서의 빛

샘에 의해 야기되는 시야각 의존성 컬러 쉬프트의 저감을 의미한다.

본 발명에서, 필름의 최적 수치는 상기 관계식에 의해 표현되고, 효과는 후술될 적절한 실시형태에 의해 확인된다. 본 발명

의 효과를 보장하는 범위는 상술된 관계식에서 변수 세트 A, B, C 및 D, 또는 변수 세트 E, F 및 G에 의해 특정되었다. 편

의상, B 및 D, 또는 G는 필름의 유효 범위를 표현하는데 수치상 가장 적합한 상수 세트이고, A 및 C, 또는 E 및 F만이 본

발명의 효과를 얻기 위한 범위를 표현하기 위해서 어떤 범위로 제공된다.

본 발명은 액정의 임의 굴절률 및 파장 분산 하에서, VA모드 패널에서의 콘트라스트의 시야각-의존성 및 시야각에 의존하

는 컬러 쉬프트를 상당량 감소시킬 수 있는 광학 보상필름을 제공하는 것이고, 이와 동시에, 본 발명은 또한 R, G 및 B의

다른 파장을 사용하는 액정셀에 응용가능하다. 예를 들어, 상술한 관계식에 기초한 광학 보상은, 본 발명의 필름이 R, G 및

B의 다른 액정셀을 가지는 투과형 액정셀에 적용되는 경우에 또한 효과적이고, 이것은 결과적으로 요망되는 콘트라스트를

보장하는 시야각을 확대한다. 많은 파장이 혼합된 일반 광원을 사용하는 액정패널일지라도, G에 대한 파장으로 액정패널

의 특성을 나타내고, 본 발명의 관계식에 부응하는 광학 보상필름을 사용함으로써, 요망되는 콘트라스트를 보장하는 시야

각 확대의 효과를 얻는 것이 가능하다.

본 발명의 범위는 액정층의 표시모드에 제한되지 않고, VA 모드, IPS 모드, ECB 모드, TN 모드 및 OCB 모드를 포함하는

다른 표시 모드를 채용하는 액정표시장치에 적용가능하다.

다음의 단락들은 본 발명에 적용가능한 광학 보상필름의 광학 특성, 원재료, 제조방법 등을 더 상세히 설명할 것이다.

[광학 보상필름]

본 발명에 적용가능한 광학 보상필름은 요망되는 콘트라스트를 보장하면서 시야각을 개선하고, 액정표시장치 특히, VA 모

드 액정표시장치의 시야각에 따른 컬러 쉬프트를 감소시키는데 기여한다. 본 발명에서, 광학 보상필름은 관측차 측에서 편

광판과 액정셀 사이에 배치되거나, 또는 배면측에서 편광판과 액정셀 사이에 배치되거나, 또는 양측 모두에 배치될 수 있
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다. 또한, 독립 부품으로서의 필름을 액정표시장치에 통합하거나, 또는 광학 보상필름으로서 기능하도록 하기 위해서 편광

판을 보호하는 보호필름에 광학 특성을 부여하고, 편광판의 일 구성부품으로서의 필름을 액정표시장치에 통합하는 것이

허용된다.

상술한 바와 같이, 광학 보상필름은, 가시광 파장영역 중의, 광원 또는 관측자 측에서 사용되는 임의의 파장 λ에서 Re/λ 및

Rth/λ에 대한 바람직한 범위를 가지는데, 이 범위는 액정층의 실시형태 모드와 파장 λ에 따라 달라진다. 파장 λ=550nm에

서 필름이 VA모드 액정표시셀의 광학보상을 위해 사용되는 예시적인 경우 (예를 들어, 두께 d(㎛) 및 굴절률 이방성 △n의

곱인 △n·d가 0.2~1.0㎛의 값을 가지는 액정층을 포함하는 VA모드 액정셀) 에서, Re/λ는 바람직하게 0.04~0.13nm, 더

바람직하게 0.05~0.1nm, 보다 더 바람직하게 0.06~0.09nm의 범위이다. Rth/λ는 바람직하게 0.05~1.1nm, 더 바람직하

게 0.1~1.0nm, 보다 더 바람직하게 0.13~0.91nm의 범위이다.

광학 보상필름은 서로 수직하는 x방향, y방향 및 z방향으로 nx, ny 및 nz 3개의 평균 굴절률을 각각 가진다. 3개의 수치는

광학 보상필름의 고유 굴절률이고, Re 및 Rth는 이들 수치와 필름 두께 d1에 의해 결정된다. 상술한 광학 특성을 만족하는

광학 보상필름은 이들 수치를 바람직한 범위로 맞추기 위해서, 원료, 재료의 화합량 및 공정조건을 적절히 선택함으로써

제조될 수 있다. nx, ny 및 nz 수치는 파장에 따라 다르므로, Rth 및 Re 또한 파장에 따라 다르다. 광학 보상필름은 이 특징

을 이용하여 제조될 수 있다.

본 발명에서, 광학 보상필름을 제조하기 위해 사용되는 재료에는 특별한 제한이 없다. 예를 들어, 상기 필름은 액정성 화합

물 분자를 임의로 배향시켜 고정함으로써 형성된 광학 이방성필름 및 연신된 복굴절 폴리머 필름 중 어느 하나일 수 있다.

광학 보상필름은 단일층 구조를 가지는 것에 제한되지 않고, 적층된 복수개의 필름을 포함하는 적층 구조를 가질 수 있다.

적층 구조의 각 층을 구성하는 물질은 반드시 동일하지 않고, 전형적으로 액정성 화합물을 포함하는 성분으로 형성된 광학

이방성필름과 폴리머 필름을 포함하는 적층체일 수 있다. 적층 구조의 실시형태에서, 코팅에 의해 형성된 층을 포함하는

코팅 타입의 적층구조는, 두께를 참작할 때, 복수의 폴리머 연신 필름을 포함하는 적층체보다 더 바람직하다.

액정성 분자는 다양한 모드의 배향 상태로 배열될 수 있고, 결국 액정성 화합물이 광학 보상필름 제조에 사용되는 경우, 액

정성 분자를, 단일층 또는 복수층의 적층체의 형태로, 어떤 배향 상태로 고정하여 제조된 광학 이방성필름은 요망되는 광

학 특성을 나타낼 수 있다. 광학 보상필름은 지지체 및 상기 지지체 상에 형성된 하나 이상의 광학 이방성필름을 포함함으

로써 구체화될 수 있다. 이처럼 구체화된 광학 보상필름의 전체 리타데이션은 광학 이방성필름의 광학 이방성에 의해 조절

될 수 있다. 액정성 화합물은 그 분자 형태에 기초하여 막대형 액정 화합물 및 디스코틱 액정 화합물로 분류될 수 있다. 각

액정 화합물은 저분자 타입 및 고분자 타입을 더 포함한다. 광학 보상필름이 액정화합물을 사용하여 제조될 때, 막대형 액

정화합물 또는 디스코틱 액정화합물을 사용하는 것이 바람직하고, 중합가능기를 가지는 막대형 액정화합물 또는 중합가능

기를 가지는 디스코틱 액정화합물을 사용하는 것이 더 바람직하다.

광학 보상필름은 폴리머 필름으로 구성될 수 있다. 폴리머 필름은 연신된 폴리머 필름이거나 또는 코팅된 폴리머층 및 폴

리머 필름의 조합일 수 있다. 폴리머를 구성하기 위해 일반적으로 사용되는 재료는, 합성 폴리머 (예를 들어, 폴리카보네이

트, 폴리술폰, 폴리에테르 술폰, 폴리아크릴레이트, 폴리메타크릴레이트, 노보넨 수지 및 트리아세틸 셀룰로오즈) 를 포함

한다. 또한 셀룰로오즈 아실레이트계 필름이 바람직하게 사용되는데, 여기서 필름은 셀룰로오즈 아실레이트 및 첨가된 방

향족 고리-함유 막대형 화합물 (더 구체적으로 2개의 방향족 고리를 가지는 방향족 화합물) 을 포함하는 성분으로 형성된

다. 요망되는 광학 특성을 가지는 폴리머 필름은 상기 방향족 화합물의 종류, 상기 화합물의 첨가량, 및 필름의 연신조건을

조절함으로써 제조될 수 있다.

《셀룰로오즈 아실레이트 필름》

본 발명에 적용가능한 셀룰로오즈 아실레이트 필름을 더 상세히 설명하기로 한다.

방향족 고리 (더 구체적으로, 2개의 방향족 고리를 가지는 방향족 화합물) 를 가지는 방향족 화합물 종류, 그것의 첨가량

및 제조 조건 (일예로, 필름 연신 조건) 의 적절한 조절은, 본 발명에 의한 투명필름의 광학특성을 만족시킬 수 있는 셀룰로

오즈 아실레이트 필름 제조할 수 있게 한다. 편광판용 보호필름이 일반적으로 셀룰로오즈 아실레이트 필름으로 구성된다

는 것은 주목할 점이다. 편광판용 보호필름 중 하나로써의 상술한 셀룰로오즈 아실레이트 필름의 사용은, 편광판의 구성요

소 수를 늘리지 않으면서 편광판에 광학 보상 기능을 부가하는 것을 가능하게 한다.

250nm 이하에서 UV 스펙트럼에서 각각 최대 흡수 파장 (λmax) 을 가지는 2종류 이상의 막대형 화합물의 조합된 사용은,

파장에 따라 달라지는 Re/Rth를 얻는데 성공적이다.
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셀룰로오즈 아실레이트용 원료 코튼 (cotton) 은 공지된 것일 수 있다 (예를 들어, JIII Journal of Technical Disclosure

No. 2001-1745 참고). 셀룰로오즈 아실레이트의 합성 또한 공지 방법에 따라 수행될 수 있다 ("Mokuzai Kagaku (Wood

Chemistry)" 참고, Migita et al.에 의해 편집, p. 180-190, Kyoritsu Shuppan Co., Ltd.에 의해 출판, 1968). 셀룰로오즈

아실레이트의 점도 평균 중합도는 바람직하게 200~700의 범위이고, 더 바람직하게 250~500의 범위이며, 가장 바람직하

게 250~350의 범위이다. 본 발명에 사용되는 셀룰로오즈 에스테르는 젤 투과 크로마토그래피에 의해 측정된 Mw/Mn의

점에서 바람직하게 좁은 분자량 분포를 가진다 (Mw는 중량 평균 분자량이고, Mn은 개수 평균 분자량이다). Mw/Mn의 구

체적인 수치는 바람직하게 1.5~5.0, 더 바람직하게 2.0~4.5, 그리고 가장 바람직하게 3.0~4.0이다.

셀룰로오즈 아실레이트 필름에서 아실기에 대한 특별한 제한은 없으며, 여기서 바람직한 예는 아세틸기 및 프로피오닐기

를 포함하며, 아세틸기가 특히 바람직하다. 전체 아실기의 치환도는 바람직하게 2.7~3.0이고, 더 바람직하게 2.8~2.95이

다. 본 발명의 명세서에 기재된 아실기의 치환도는 ASTM D817에 따라 계산된 수치를 말한다. 아실기는 가장 바람직하게

아세틸기이다. 아실기로서 아세틸기를 가지는 셀룰로오즈 아세테이트가 사용되는 경우에 대해서, 아세틸레이션화 정도

(degree of acetylation) 는 바람직하게 59.0~62.5%이고, 더 바람직하게 59.0~61.5%이다. 이들 범위로 규정된 아세틸레

이션화 정도는, 캐스트 스프레딩 동안 전달 장력 (transfer tension) 때문에 Re가 요망되는 수치 이상으로 증가되는 것을

방지하고, 그것의 면내 변화를 줄이며, 온도 및 습도에 따른 리타데이션 수치의 변화를 억제하는데 성공적이다. Re 및 Rth

의 변화를 억제한다는 관점에서, 6-위치에서의 아실기에 의한 치환도는 바람직하게 0.9 이상으로 조절된다.

미리 결정된 범위내에서의 아세틸레이션화 정도가 다른 2종의 셀룰로오즈 아세테이트의 혼합 사용이 리타데이션의 파장

분산 특성의 조절을 가능하게 한다는 사실을 전제로, 파장 분산 특성을 조절하는 것이 또한 가능하다. 이 방법에서, 일본

공개 특허 공보 2001-253971에 상세히 기재된 바와 같이, 최대 아세틸레이션화 정도 (Ac1) 를 가지는 셀룰로오즈 아세

테이트와 최소 아세틸레이션화 정도 (Ac2) 를 가지는 셀룰로오즈 아세테이트 사이의 아세틸레이션화 정도의 편차 (Ac1-

Ac2) 를 2.0~6.0%의 범위 내 (2.0%≤Ac1-Ac2≤6.0%) 로 조절하는 것이 바람직하다. 전체 혼합물의 평균 아세틸레이션

화 정도는 바람직하게 55.0~61.5%의 범위이다. 셀룰로오즈 아세테이트의 최대 점도 평균 중합도 (P1) 와 최소 점도 평균

중합도 (P2) 의 비 (P1/P2) 는 바람직하게 1이상 그리고 2미만 (1≤ P1/P2 <2) 이다. 전체 혼합물의 점도 평균 중합도는

바람직하게 250~500의 범위이고, 더 바람직하게 250~400의 범위이다.

《리타데이션 제어제》

셀룰로오즈 아실레이트 필름은 바람직하게 리타데이션 제어제로서 2이상의 방향족 고리를 가지는 막대형 화합물을 포함

한다. 막대형 화합물은 바람직하게 직선 분자 구조를 가진다. 여기서, 직선 분자 구조는, 막대형 화합물이 열역학적으로 가

장 안정한 구조로서 직선 분자 구조를 보임을 의미한다. 열역학적으로 가장 안정된 구조는 결정학적 분석 또는 분자 오비

탈 추정에 의해 결정될 수 있다. 예를 들어, 분자 오비탈 추정 소프트웨어 (일예로, WinMOPAC2000, FUJITSU의 제품)

를 사용한 분자 오비탈 추정을 통해서, 화합물의 형성열을 최소화하는 결정 구조를 결정하는 것이 가능하다. 직선분자 구

조는, 이처럼 추정된 열역학적으로 가장 안정한 구조에서, 분자 구조에서의 주쇄가 140°이상의 각을 형성하는 것을 의미

한다.

2개 이상의 방향족 고리를 가지는 막대형 화합물은 바람직하게 하기 식 (1) 로 표현된다:

식 (1) : Ar1-L1-Ar2

상기 식 (1)에서, Ar1 및 Ar2 각각은 독립적으로 방향족 고리를 나타내고, L1은 알킬렌기, 알케닐렌기, 알키닐렌기, -O-, -

CO- 및 그 임의의 조합으로부터 선택된 이가 결합기를 나타낸다.

이 명세서에서, "방향족기" 라는 용어는 임의의 아릴기 (방향족 탄화수소기), 임의의 치환 아릴기, 임의의 방향족 헤테로사

이클기, 또는 임의의 치환 방향족 헤테로사이클기에 대해 사용된다.

아릴기 및 치환 아릴기는 방향족 헤테로사이클기 및 치환 방향족 헤테로사이클기보다 더 바람직하다. 방향족 헤테로사이

클기의 헤테로사이클은 일반적으로 불포화되어 잇다. 방향족 헤테로사이클은 바람직하게 5-원소 고리, 6-원소 고리, 또는

7-원소 고리이고, 5-원소 고리 또는 6-원소 고리가 더 바람직하다. 방향족 헤테로사이클은 통상 이중결합의 최대 개수를

가진다. 헤테로원자는 바람직하게 질소 원자, 산소 원자 또는 황 원자이고, 더 바람직하게 질소 원자 또는 황 원자이다. 방
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향족 헤테로사이클의 예는 푸란 고리, 티오펜 고리, 피롤 고리, 옥사졸 고리, 이소옥사졸 고리, 티아졸 고리, 이소티아졸 고

리, 이미다졸 고리, 피라졸 고리, 푸라잔 고리, 트리아졸 고리, 피란 고리, 피리딘 고리, 피리다진 고리, 피리미딘 고리, 피라

진 고리, 및 1,3,5-트리아진 고리를 포함한다.

방향족기에서 방향족 고리는 바람직하게 벤젠 고리, 푸란 고리, 티오펜 고리, 피롤 고리, 옥사졸 고리, 티아졸 고리, 이미다

졸 고리, 트리아졸 고리, 피리딘 고리, 피리미딘 고리 또는 피라진 고리이며, 여기서 벤젠 고리가 특히 바람직하다.

치환 아릴기 및 치환 방향족 헤테로사이클기에서 치환기의 예는 할로겐 원자 (F, Cl, Br, I), 히드록실, 카르복실, 시아노,

아미노, 알킬아미노기 (일예로, 메틸아미노, 에틸아미노, 부틸아미노, 디메틸아미노), 니트로, 술포, 카르바모일, 알킬카르

바모일기 (일예로, N-메틸카르바모일, N-에틸카르바모일, N,N-디메틸카르바모일), 술파모일, 알킬술파모일기 (일예로,

N-메틸술파모일, N-에틸술파모일, N,N-디메틸술파모일), 우레이도, 알킬우레이도기 (일예로, N-메틸우레이도, N,N-디

메틸우레이도, N,N,N'-트리메틸우레이도), 알킬기 (일예로, 메틸, 에틸, 프로필, 부틸, 펜틸, 헵틸, 옥틸, 이소프로필, s-부

틸, t-아밀, 사이클로헥실, 사이클로펜틸), 알케닐기 (일예로, 비닐, 아릴, 헥세닐), 알키닐기 (일예로, 에티닐, 부티닐), 아

실기 (일예로, 포르밀, 아세틸, 부티릴, 헥사노일, 라우릴), 아실록시기 (일예로, 아세톡시, 부티릴록시, 헥사노일록시, 라우

릴록시), 알콕시기 (일예로, 메톡시, 에톡시, 프로폭시, 부톡시, 펜틸록시, 헵틸록시, 옥틸록시), 아릴록시기 (일예로, 페녹

시), 알콕시카르보닐기 (일예로, 메톡시카르보닐, 에톡시카르보닐, 프로폭시카르보닐, 부톡시카르보닐, 펜틸록시카르보닐,

헵틸록시카르보닐), 아릴록시카르보닐기 (일예로, 페녹시카르보닐), 알콕시카르보닐아미노기 (일예로, 부톡시카르보닐아

미노, 헥실록시카르보닐아미노), 알킬티오기 (일예로, 메틸티오, 에틸티오, 프로필티오, 부틸티오, 펜틸티오, 헵틸티오, 옥

틸티오), 아릴티오기 (일예로, 페닐티오), 알킬술포닐기 (일예로, 메틸술포닐, 에틸술포닐, 프로필술포닐, 부틸술포닐, 펜틸

술포닐, 헵틸술포닐, 옥틸술포닐), 아미드기 (일예로, 악타미드, 부틸아미드기, 헥실아미드, 라우릴아미드) 및 비방향족 헤

테로사이클기 (일예로, 모르포릴, 피라지닐) 를 포함한다.

치환 아릴기 및 치환 방향족 헤테로사이클기에서의 치환기는 바람직하게 할로겐 원자, 시아노, 카르복실, 히드록실, 아미

노, 알킬치환 아미노기, 아실기, 아실록시기, 아미드기, 알콕시카르보닐기, 알콕시기, 알킬티오기 또는 알킬기이다.

알킬 부분과 알킬아미노기, 알콕시카르보닐기, 알콕시기 및 알킬티오기에서의 알킬기는 치환기를 더 포함할 수 있다. 알킬

부분과 알킬기에 대한 치환기의 예는 할로겐 원자, 히드록실, 카르복실, 시아노, 아미노, 알킬아미노기, 니트로, 술포, 카르

바모일, 알킬카르바모일기, 술파모일, 알킬술파모일기, 우레이도, 알킬우레이도기, 알케닐기, 알키닐기, 아실기, 아실록시

기, 알콕시기, 아릴록시기, 알콕시카르보닐기, 아릴록시카르보닐기, 알콕시카르보닐아미노기, 알킬티오기, 아릴티오기, 알

킬술포닐기, 아미드기 및 비방향족 헤테로사이클기를 포함한다. 알킬 부분과 알킬기에 대한 치환기는 바람직하게 할로겐

원자, 히드록실, 아미노, 알킬아미노기, 아실기, 아실록시기, 아실아미노기, 알콕시카르보닐기 또는 알콕시기이다.

L1은 알킬렌기, 알케닐렌기, 알키닐렌기, -O-, -CO- 및 그 임의의 조합에 기초한 기로부터 선택된 이가 결합기를 나타낸

다.

알킬렌기는 사이클 구조를 가질 수 있다. 사이클 알킬렌기는 바람직하게 사이클로헥실렌이고, 특히 바람직하게 1,4-사이

클로헥실렌이다. 쇄상 알킬렌기로서, 직쇄 알킬렌기가 가지형 알킬렌기보다 더 바람직하다.

알킬렌기의 탄소원자 수는 바람직하게 1~20이고, 더 바람직하게 1~15이며, 보다 더 바람직하게 1~10이고, 더욱 더 바람

직하게 1~8이며, 그리고 가장 바람직하게 1~6이다.

알케닐렌기 및 알키닐렌기는 바람직하게 사이클 구조보다 직선 구조를 가지며, 바람직하게 가지형 구조보다 직쇄 구조를

가진다. 알케닐렌기 및 알키닐렌기의 탄소원자 수는 바람직하게 2~10이고, 더 바람직하게 2~8이며, 보다 더 바람직하게

2~6이고, 더욱 더 바람직하게 2~4이며, 그리고 가장 바람직하게 2 (비닐렌 또는 에티닐렌) 이다. 아릴렌기는 바람직하게

6~20, 더 바람직하게 6~16, 보다 더 바람직하게 6~12의 탄소원자 수를 가진다.

조합에 기초한 이가 결합기의 예는 하기에 나열된다:

L-1: -O-CO-알킬렌기-CO-O-

L-2: -CO-O-알킬렌기-O-CO-

L-3: -O-CO-알케닐렌기-CO-O-
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L-4: -CO-O-알케닐렌기-O-CO-

L-5: -O-CO-알키닐렌기-CO-O-

L-6: -CO-O-알키닐렌기-O-CO-

L-7: -O-CO-아릴렌기-CO-O-

L-8: -CO-O-아릴렌기-O-CO-

L-9: -O-CO-아릴렌기-CO-O-

L-10: -CO-O-아릴렌기-O-CO-

식 (1)로 표현된 분자 구조에서, L1이 그 사이에 배치되면서, Ar1 및 Ar2 사이에 형성된 각은 바람직하게 140°이상이다. 막

대형 화합물로서, 하기 식 (2)로 표현되는 것이 더 바람직하다:

식 (2): Ar1-L2-X-L3-Ar2

상기 식 (2)에서, Ar1 및 Ar2 각각은 독립적으로 방향족 고리를 나타낸다. 방향족기의 정의와 예는 식 (1)에서 Ar1 및 Ar2

에 대한 그것과 동일하다.

식 (2)에서, L2 및 L3 각각은 독립적으로 알킬렌기, -O-, -CO- 및 그 임의의 조합으로부터 선택된 이가 결합기를 나타낸

다. 알킬렌기는 바람직하게 사이클 구조보다 쇄상 구조를 가지며, 더 바람직하게 가지형 구조보다 직쇄 구조를 가진다.

알킬렌기의 탄소원자 수는 바람직하게 1~10이고, 더 바람직하게 1~8이며, 보다 더 바람직하게 1~6이고, 더욱 더 바람직

하게 1~4이며, 가장 바람직하게 1 또는 2 (메틸렌 또는 에틸렌) 이다. L2 및 L3가 -O-CO- 또는 -CO-O-를 표현하는 것

이 특히 바람직하다.

식 (2)에서, X는 1,4-사이클로헥실렌, 비닐렌 또는 에티닐렌을 나타낸다.

식 (1)로 표현된 화합물의 구체적인 예는 하기에 표시될 것이다.
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구체적인 예 (1)~(34), (41), (42)는 사이클로헥산 고리의 1-위치 및 4-위치에서 2개의 비대칭 탄소 원자를 가진다. 대칭

메소형 (meso-form) 분자 구조를 가지는, 구체적인 예 (1), (4)~(34), (41), (42)는 이소머 (광학 불활성) 가 없고, 기하학

이소머 (트랜스형 또는 시스형) 의 형태로만 존재할 수 있다. 구체적인 예의 트랜스형 (1-trans) 및 시스형 (1-cis) 이소머

는 하기에 나열된다.
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상술한 바와 같이, 막대형 화합물은 바람직하게 직선 분자 구조를 가진다. 이러한 이유 때문에, 트랜스형은 시스형보다 더

바람직하다. 구체적인 예 (2) 및 (3)은 기하학 이소머에 이외에, 광학 이소머 (총 4 이소머) 를 가진다. 기하학 이소머에 대

해서, 상술한 바와 마찬가지로, 시스형보다 트랜스형이 더 바람직하다. 광학 이소머에 대해서는, 임의의 D-, L- 및 라세믹

화합물이 허용된다는 점에서, 특징적인 우위가 없다. 구체적인 예 (43)~(45)는 중앙 비닐렌 결합에 기여하는 트랜스형 및

시스형을 가지는데, 상술한 이유에 근거하여 시스형보다 트랜스형이 더 바람직하다.

리타데이션 조절제로 적용가능한 바람직한 다른 화합물이 아래에 나열된다:
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리타데이션 조절제로서, 2종 이상의 막대형 화합물을 조합하여 사용하는 것, 자외선 흡수 분광법에서 250nm 이하의 최대

흡수파장 (λmax) 을 나타내는 각 용액 샘플을 사용하는 것이 바람직하다. 막대형 화합물은 또다른 문헌에 기재된 방법에

따라 합성될 수 있다. 문헌은 Mol. Cryst. Liq. Cryst., Vol. 53, p.229 (1979), ditto Vol. 89, p.93 (1982), ditto Vol.

145, p.111 (1987), ditto Vol. 170, p.43 (1989), J. Am. Chem. Soc., Vol. 113, p.1349 (1991), ditto Vol. 118, p.5346

(1996), ditto Vol. 92, p.1582 (1970), J. Org. Chem., Vol. 40, p.420 (1975), 및 Tetrahedron, Vol. 48, No. 16,

p.3437 (1992) 를 들 수 있다.

리타데이션 조절제의 첨가량은 바람직하게 폴리머 양의 0.1~30중량%이고, 더 바람직하게 0.5~20중량%이다.

방향족 화합물은 셀룰로오즈 아실레이트 100중량부당 0.01~20중량부의 범위에서 사용된다. 방향족 화합물은 셀룰로오

즈 아실레이트 100중량부당 바람직하게 0.05~15 중량부의 양으로, 더 바람직하게 0.1~10중량부의 양으로 사용된다. 상

기 화합물 2종 이상의 혼합 사용 또한 허용된다.

[파장 분산 조정제]

다음, 셀룰로오즈 아실레이트 필름의 파장 분산을 조절할 수 있는 화합물을 기술할 것이다. 셀룰로오즈 아실레이트 필름의

파장 분산은 다양한 방법에 의해 바람직한 범위 이내로 조절될 수 있다. 예를 들어, 셀룰로오즈 아실레이트 필름의 파장 분

산은 200~400nm의 UV 범위에서의 흡수율을 가지는 화합물을 첨가함으로써 바람직한 범위 이내로 조절될 수 있다. 상술

한 화합물의 양은 화합물의 종류 또는 조절 정도에 의해서 결정될 수 있다.

셀룰로오즈 아실레이트 필름의 Re 및 Rth의 수치는, 단파장 측보다 장파장 측에서 증가되는 것과 같은 파장 분산 특성을

일반적으로 나타낸다. 따라서, 단파장 측에서 상대적으로 작은 Re 및 Rth 수치를 증가시킴으로써 파장 분산을 부드럽게 하

는 것이 필요하다. 반면에, 200~400nm의 자외선 영역에서의 흡수율를 가지는 화합물은, 단파장 측에서보다 장파장 측에

서 더 큰 흡광도를 가지는 것과 같은 파장 분산 특성을 나타낸다. 화합물 자체가 셀룰로오즈 아실레이트 필름에 비등방적

으로 분포할 수 있다면, 흡광도의 파장 분산과 마찬가지로, 화합물 자체의 복굴절 및 그에 따른 Re 및 Rth의 파장 분산이

단파장 측에서 더 커질 것으로 판단된다.

따라서, 200~400nm의 자외선 영역에서의 흡수율를 가지고, 단파장 측에서 더 커질 것으로 판단되는 화합물 자체의 Re

및 Rth의 파장 분산을 가지는, 상술한 화합물을 사용함으로써, 셀룰로오즈 아실레이트 필름의 Re 및 Rth의 파장 분산을 조

절하는 것이 가능하다. 자외선 영역에서의 이러한 종류의 화합물 흡수띠는 바람직하게 200~400nm, 더 바람직하게

220~395nm, 보다 더 바람직하게 240~390nm의 범위에 있다. 또한 파장 분산을 조절하는데 사용되는 화합물은 셀룰로오

즈 아실레이트와 충분히 친화적일 필요가 있다.

요즈음, TV 세트, 노트북 타입의 퍼스널 컴퓨터 및 이동 단말기 등에 사용되는 액정 디스플레이의 낮은 소비전력과 함께

높은 휘도가 요구되고 있고, 결과적으로 액정 디스플레이에 사용되는 광학 재료의 높은 투과성이 요구되고 있다. 이러한
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관점에서, 셀룰로오즈 아실레이트 필름에 첨가되는 화합물은 스펙트럼 투과성이 우수해야 한다. 셀룰로오즈 아실레이트

필름은 바람직하게 380nm에서 45%이상 95%이하의 스펙트럼 투과성을 가지고, 350nm에서 10%이하의 스펙트럼 투과성

을 가진다.

휘발성 관점에서, 파장 분산 조정제는 바람직하게 250~1000, 더 바람직하게 260~800, 보다 더 바람직하게 270~800, 그

리고 특히 바람직하게 300~800의 분자량을 가진다. 상기 조절제는, 그 분자량이 상술한 범위 내에 있는한, 모노머 구조를

가지거나, 서로 결합된 복수개의 모노머 단위체로 구성되는 올리고머 구조 또는 폴리머 구조를 가질 수 있다.

셀룰로오즈 아실레이트 필름이, 용매 캐스트 공정과 같은 가열 공정을 수반하는 방법에 의해 제조되는 경우, 파장 분산 조

정제는 도프의 캐스트 스프레딩, 건조 등의 공정에서 휘발하지 않는 것이 바람직하다.

파장 분산 조정제의 양은 바람직하게 셀룰로오즈 아실레이트의 0.01~30 중량%, 더 바람직하게 0.1~30 중량%, 보다 더

바람직하게 0.1~20 중량%, 및 특히 바람직하게 0.2~10 중량%이다.

파장 분산 조정제는 독립적으로 또는 2이상의 화합물을 임의의 비율로 혼합하는 혼합법으로 적용될 수 있다.

첨가되어야 하는 파장 분산 조정제는 특별히 제한되지 않는다. 셀룰로오즈 아실레이트 필름이 용매 캐스트 방법에 의해 제

조되는 경우, 조절제는 도프 준비 공정 동안, 또는 도프 준비 공정의 끝에 첨가될 수 있다.

본 발명에서 바람직하게 사용되는 파장 분산 조정제의 구체적인 예는 벤조트리아졸계 화합물, 벤조페논계 화합물, 시아노

기 함유 화합물, 옥시벤조페논계 화합물, 살리실리산-에스테르계 화합물 및 니켈 복합염계 화합물을 포함하고, 여기서 본

발명은 이들 화합물에 결코 제한되지 않는다.

파장 분산 조정제의 바람직한 예는 하기 식 (3)으로 표현된다:

식 (3) Q1-Q2-OH

여기서, Q1은 질소 함유 방향족 헤테로사이클을 나타내고, Q2는 방향족 고리를 나타낸다.

Q1으로 표현되는 질소함유 방향족 헤테로사이클은 바람직하게 5-원소 내지 7-원소의 질소함유 방향족 헤테로사이클이

고, 더 바람직하게 5-원소 또는 6-원소의 질소함유 방향족 헤테로사이클이며, 여기서 그 예는 이미다졸, 피라졸, 트리아

졸, 테트라졸, 티아졸, 옥사졸, 셀레나졸, 벤조트리아졸, 벤조티아졸, 벤조옥사졸, 벤조셀레나졸, 티아디아졸, 옥사디아졸,

나프토티아졸, 나프토옥사졸, 아자벤지미다졸, 푸린, 피리딘, 피라진, 피리미딘, 피리다진, 트리아진, 트리아자인덴 및 테

트라자인덴을 포함한다. 그중에서, 5-원소의 질소함유 방향족 헤테로사이클이 바람직하며, 그 구체적인 예는 이미다졸,

피라졸, 트리아졸, 테트라졸, 티아졸, 옥사졸, 벤조트리아졸, 벤조티아졸, 벤조옥사졸, 티아디아졸, 및 옥사디아졸을 포함

한다. 벤조트리아졸이 특히 바람직하다. Q1으로 표현되는 질소함유 방향족 헤테로 사이클은 치환기를 더 가질 수 있고, 여

기서 후술할 치환기 T는 치환기로서 적용가능하다. 복수의 치환기를 가지는 경우, 각 치환기는 서로 결합할 수 있고 그것

에 의해 응축 고리를 형성한다.

Q2로 표현되는 방향족 고리는 방향족 탄화수소 고리이거나 또는 방향족 헤테로사이클일 수 있다. 방향족 고리는 단일사이

클이거나, 다른 고리와 함께 응축 고리를 더 형성할 수 있다. 방향족 탄화수소 고리는 바람직하게 6~30개의 탄소 원자 수

를 가지는 단일사이클 또는 이중사이클 방향족 탄화수소 고리 (일예로, 벤젠 고리, 나프탈렌 고리) 이고, 더 바람직하게

6~20개의 탄소 원자 수를 가지는 방향족 탄화수소 고리이며, 보다 더 바람직하게 6~12개의 탄소 원자 수를 가지는 방향

족 탄화수소 고리이며, 더욱 더 바람직하게 벤젠 고리이다.

방향족 헤테로사이클은 바람직하게 질소원자 함유 또는 황원자 함유 방향족 헤테로사이클이다. 방향족 헤테로사이클의 구

체적인 예는 티오펜, 이미다졸, 피라졸, 피리딘, 피라진, 피리다진, 트리아졸, 트리아진, 인돌, 인다졸, 푸린, 티아졸린, 티아

졸, 티아디아졸, 옥사졸린, 옥사졸, 옥사디아졸, 퀴놀린, 이소퀴놀린, 프탈라진, 나프티리딘, 퀴녹살린, 퀴나졸린, 신놀린,

프테리딘, 아크리딘, 페난트롤린, 페나진, 테트라졸, 벤지미다졸, 벤조옥사졸, 벤조티아졸, 벤조트리아졸 및 테트라자인덴

을 포함한다. 방향족 헤테로사이클은 바람직하게 피리딘, 트리아진 또는 퀴놀린이다.
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Q2는 바람직하게 방향족 탄화수소 고리를 표현하고, 더 바람직하게 나프탈렌 고리 또는 벤젠 고리를 표현하며, 특히 바람

직하게 벤젠 고리를 표현한다.

Q1 및 Q2 각각은 하기에 나열된 치환기 T로부터 바람직하게 선택된 치환기를 더 가질 수 있다.

치환기 T:

메틸, 에틸, 이소프로필, t-부틸, n-옥틸, n-데실, n-헥사데실, 사이클로프로필, 사이클로펜틸 또는 사이클로헥실과 같은

알킬기 (바람직하게 C1-20, 더 바람직하게 C1-12, 및 훨씬 더 바람직하게 C1-8 알킬기); 비닐, 알릴, 2-부테닐 또는 3-펜테

닐과 같은 알케닐기 (바람직하게 C2-20, 더 바람직하게 C2-12, 및 훨씬 더 바람직하게 C2-8 알케닐기); 프로파르길 또는 3-

펜티닐과 같은 알키닐기 (바람직하게 C2-20, 더 바람직하게 C2-12, 및 훨씬 더 바람직하게 C2-8 알키닐기); 페닐, p-메틸페

닐 또는 나프틸과 같은 아릴기 (바람직하게 C6-30, 더 바람직하게 C6-20, 및 훨씬 더 바람직하게 C6-12 아릴기); 벤질, 페네

틸 또는 3-페닐프로필과 같은 아르알킬기 (바람직하게 C7-30, 더 바람직하게 C7-20, 및 훨씬 더 바람직하게 C7-12 아르알

킬기); 비치환 아미노, 메틸아미노, 디메틸아미노, 디에틸아미노 또는 아닐리노와 같은 치환 또는 비치환 아미노기 (바람직

하게 C0-20, 더 바람직하게 C0-10, 및 훨씬 더 바람직하게 C0-6 아미노기); 메톡시, 에톡시 또는 부톡시와 같은 알콕시기

(바람직하게 C1-20, 더 바람직하게 C1-16, 및 훨씬 더 바람직하게 C1-10 알콕시기); 메톡시카르보닐 또는 에톡시카르보닐

과 같은 알콕시카르보닐기 (바람직하게 C2-20, 더 바람직하게 C2-16, 및 훨씬 더 바람직하게 C2-10 알콕시카르보닐기); 아

세톡시 또는 벤조일록시와 같은 아실록시기 (바람직하게 C2-20, 더 바람직하게 C2-16, 및 훨씬 더 바람직하게 C2-10 아실

록시기); 아세틸아미노 또는 벤조일아미노와 같은 아실아미노기 (바람직하게 C2-20, 더 바람직하게 C2-16, 및 훨씬 더 바람

직하게 C2-10 아실아미노기); 메톡시카르보닐 아미노와 같은 알콕시카르보닐아미노기 (바람직하게 C2-20, 더 바람직하게

C2-16, 및 훨씬 더 바람직하게 C2-12 알콕시카르보닐아미노기); 페닐록시카르보닐아미노기와 같은 아릴록시카르보닐아미

노기 (바람직하게 C7-20, 더 바람직하게 C7-16, 및 훨씬 더 바람직하게 C7-12 아릴록시카르보닐아미노기); 메틸술포닐아미

노기 또는 벤젠술포닐아미노기와 같은 술포닐아미노기 (바람직하게 C1-20, 더 바람직하게 C1-16, 및 훨씬 더 바람직하게

C1-12 술포닐아미노기); 비치환 술파모일, 메틸술파모일, 디메틸술파모일 또는 페닐술파모일과 같은 술파모일기 (바람직

하게 C0-20, 더 바람직하게 C0-16, 및 훨씬 더 바람직하게 C0-12 술파모일기); 비치환 카르바모일, 메틸카르바모일, 디에틸

카르바모일 또는 페닐카르바모일과 같은 카르바모일기 (바람직하게 C1-20, 더 바람직하게 C1-16, 및 훨씬 더 바람직하게

C1-12 카르바모일기); 메틸티오 또는 에틸티오와 같은 알킬티오기 (바람직하게 C1-20, 더 바람직하게 C1-16, 및 훨씬 더 바

람직하게 C1-12 알킬티오기); 페닐티오와 같은 아릴티오기 (바람직하게 C6-20, 더 바람직하게 C6-16, 및 훨씬 더 바람직하

게 C6-12 아릴티오기); 메실 또는 토실과 같은 술포닐기 (바람직하게 C1-20, 더 바람직하게 C1-16, 및 훨씬 더 바람직하게

C1-12 술포닐기); 메탄 술피닐 또는 벤젠술피닐과 같은 술피닐기 (바람직하게 C1-20, 더 바람직하게 C1-16, 및 훨씬 더 바

람직하게 C1-12 술피닐기); 비치환 우레이도, 메틸우레이도 또는 페닐우레이도와 같은 우레이도기 (바람직하게 C1-20, 더

바람직하게 C1-16, 및 훨씬 더 바람직하게 C1-12 우레이도기); 디에틸포스포릭 아미드 또는 페닐포스포릭 아미드와 같은

포스포릭 아미드 (바람직하게 C1-20, 더 바람직하게 C1-16, 및 훨씬 더 바람직하게 C1-12 포스포릭 아미드); 히드록시기,

메르캅토기 그리고 불소, 염소 또는 요오드와 같은 할로겐 원자; 시아노기, 술포기, 카르복실기, 니트로기, 히드록사민산

기, 술피노기, 히드라지노기, 이미노기, 그리고 이미다조릴, 피리딜, 퀴놀릴, 푸릴, 피페리딜, 모르폴리노, 벤조옥사조릴, 벤

지미다조릴 또는 벤조티아졸릴과 같은 헤테로 사이클기 (질소, 산소 또는 황과 같은 하나 이상의 헤테로 원자를 포함하는,

바람직하게 C1-30, 더 바람직하게 C1-12 헤테로사이클기); 및 트리메틸실릴 또는 트리페닐실릴과 같은 실릴기 (바람직하

게 C3-40, 더 바람직하게 C3-30, 및 훨씬 더 바람직하게 C3-24 실릴기).

이들 치환체는 이들로부터 선택된 하나 이상의 치환체로 치환될 수 있다. 2개 이상의 치환체가 선택될 때, 그것은 동일하

거나 또는 서로 다를 수 있다. 가능하다면, 고리를 형성하기 위해서 2개 이상이 서로 결합한다.

식 (3)으로 표현된 화합물 중에서, 식 (3-A)로 표현되는 트리아졸 화합물이 바람직하다.

식 (3-A)
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식에서, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 및 R8 각각은 수소 원자 또는 치환기를 표현한다.

R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 또는 R8 로 표현되는 치환체는 상술한 치환기 T로부터 선택된다. 상기 치환기는 하나 이상의

치환기로 치환되거나 또는 서로 결합함으로써 응축 고리를 형성할 수 있다.

R1 및 R3 각각이 수소 원자, 알킬기, 알케닐기, 알키닐기, 아릴기, 치환 또는 비치환 아미노기, 알콕시기, 아릴록시기, 히드

록시기 또는 할로겐 원자를 표현하는 것이 바람직하고; R1 및 R3 각각이 수소 원자, 알킬기, 아릴기, 알콕시기, 아릴록시기

또는 할로겐 원자를 표현하는 것이 더 바람직하며; R1 및 R3 각각이 수소 원자 또는 C1-12 알킬기를 표현하는 것이 보다 더

바람직하고; R1 및 R3 각각이 C1-12 (바람직하게 C4-12) 알킬기를 표현하는 것이 훨씬 더 바람직하다.

R2 및 R4 각각이 수소 원자, 알킬기, 알케닐기, 알키닐기, 아릴기, 치환 또는 비치환 아미노기, 알콕시기, 아릴록시기, 히드

록시기 또는 할로겐 원자를 표현하는 것이 바람직하고; R2 및 R4 각각이 수소 원자, 알킬기, 아릴기, 알콕시기, 아릴록시기

또는 할로겐 원자를 표현하는 것이 더 바람직하며; R2 및 R4 각각이 수소 원자 또는 C1-12 알킬기를 표현하는 것이 보다 더

바람직하고; R2 및 R4 각각이 수소 원자 또는 메틸을 표현하는 것이 훨씬 더 바람직하며; R2 및 R4 각각이 수소 원자를 표

현하는 것이 가장 바람직하다.

R5 및 R8 각각이 수소 원자, 알킬기, 알케닐기, 알키닐기, 아릴기, 치환 또는 비치환 아미노기, 알콕시기, 아릴록시기, 히드

록시기 또는 할로겐 원자를 표현하는 것이 바람직하고; R5 및 R8 각각이 수소 원자, 알킬기, 아릴기, 알콕시기, 아릴록시기

또는 할로겐 원자를 표현하는 것이 더 바람직하며; R5 및 R8 각각이 수소 원자 또는 C1-12 알킬기를 표현하는 것이 보다 더

바람직하고; R5 및 R8 각각이 수소 원자 또는 메틸을 표현하는 것이 훨씬 더 바람직하며; R5 및 R8 각각이 수소 원자를 표

현하는 것이 가장 바람직하다.

R6 및 R7 각각이 수소 원자, 알킬기, 알케닐기, 알키닐기, 아릴기, 치환 또는 비치환 아미노기, 알콕시기, 아릴록시기, 히드

록시기 또는 할로겐 원자를 표현하는 것이 바람직하고; R6 및 R7 각각이 수소 원자, 알킬기, 아릴기, 알콕시기, 아릴록시기

또는 할로겐 원자를 표현하는 것이 더 바람직하며; R6 및 R7 각각이 수소 원자 또는 할로겐 원자를 표현하는 것이 보다 더

바람직하고; R6 및 R7 각각이 수소 원자 또는 염소를 표현하는 것이 훨씬 더 바람직하다.

식 (3)으로 표현되는 화합물 중에서, 식 (3-B)로 표현되는 화합물이 더 바람직하다.

식 (3-B)

식에서, R1, R3, R6 및 R7은 각각 식 (3-A)의 그것과 동일하고, 그것의 바람직한 범위도 또한 동일하다.

식 (3)으로 표현되는 화합물의 예는, 이에 한정되지 않지만, 하기에 나타낸 것을 포함한다.
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상기에서 예로써 나타낸 벤조트리아졸 화합물 중에서, 320 이상의 분자량의 화합물이 보유 관점에서 바람직하게 셀룰로오

즈 아실레이트 필름을 제조하는데 사용된다.

파장 분산 조정제의 바람직한 다른 예 중 하나는 하기 식(4)로 표현된 화합물이다.

식 (4)
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식에서, Q1 및 Q2는 각각 방향족 고리를 나타내고, X는 NR (R은 수소 원자 또는 치환기이다), 산소 원자 또는 황 원자를

나타낸다.

Q1 및 Q2로 표현되는 방향족 고리는 방향족 탄화수소 고리이거나 또는 방향족 헤테로사이클일 수 있다. 방향족 고리는 단

일사이클이거나, 또는 다른 고리와의 응축 고리를 더 형성할 수 있다. Q1 및 Q2로 표현되는 방향족 탄화수소 고리는 바람

직하게 6~30개의 탄소원자 수를 가지는 단일사이클 또는 이중사이클 방향족 탄화수소이고, 더 바람직하게 6~20개의 탄

소원자 수를 가지는 방향족 탄화수소이며, 보다 더 바람직하게 6~12개의 탄소원자 수를 가지는 방향족 탄화수소이고, 더

욱 더 바람직하게 벤젠 고리이다. Q1 및 Q2로 표현되는 방향족 헤테로사이클은 바람직하게 산소 원자, 질소 원자, 황 원자

중에서 하나 이상을 포함하는 방향족 헤테로사이클일 수 있다. 헤테로사이클의 구체적인 예는 푸란, 피롤, 티오펜, 이미다

졸, 피라졸, 피리딘, 피라진, 피리다진, 트리아졸, 트리아진, 인돌, 인다졸, 푸린, 티아졸린, 티아졸, 티아디아졸, 옥사졸린,

옥사졸, 옥사디아졸, 퀴놀린, 이소퀴놀린, 프탈라진, 나프틸리딘, 퀴녹살린, 퀴나졸린, 신놀린, 프레리딘, 아크리딘, 페난트

롤린, 페나진, 테트라졸, 벤지미다졸, 벤조옥사졸, 벤즈티아졸, 벤조트리아졸 및 테트라자인덴을 포함한다. 방향족 헤테로

사이클은 바람직하게 피리딘, 트리아진 또는 퀴놀린이다. Q1 및 Q2 각각은 바람직하게 방향족 탄화수소 고리를 나타내고,

더 바람직하게 6~10개의 탄소원자를 가지를 방향족 탄화수소 고리를 나타내며, 보다 더 바람직하게 치환 또는 비치환 벤

젠 고리를 나타낸다. Q1 및 Q2 각각은 치환기를 더 가질 수 있다. 치환기는 바람직하게 상기에 나열된 치환기 T로부터 선

택될 수 있으나, 카르복실산, 술폰산 또는 4가 암모늄염을 결코 함유하지 않는다. 복수의 치환기는 서로 결합하여 사이클

구조를 형성할 수 있다.

X는 바람직하게 NR (R은 수소 원자 또는 치환기를 나타낸다. 상술한 치환기 T는 치환기로 적용가능하다), 산소 원자 (O)

또는 황 원자 (S) 이고, 여기서 X는 바람직하게 NR (R은 바람직하게 아실기 또는 술포닐기이고, 이들 치환기는 더 치환될

수 있다), 또는 O이며, 특히 O가 바람직하다.

식 (4)로 표현된 화합물 중에서, 식 (4-A)로 표현되는 화합물이 바람직하다.

식 (4-A)

식에서, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8 및 R9 각각은 수소 원자 또는 치환체를 표현한다.

R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8 및 R9로 표현되는 치환체는 상술한 치환기 T로부터 선택된다. 상기 치환기는 하나 이상의

치환기로 치환되거나 또는 서로 결합함으로써 응축 고리를 형성할 수 있다.

R1, R3, R4, R5, R6, R8 및 R9 각각이 수소 원자, 알킬기, 알케닐기, 알키닐기, 아릴기, 치환 또는 비치환 아미노기, 알콕시

기, 아릴록시기, 히드록시기 또는 할로겐 원자를 표현하는 것이 바람직하고; R1, R3, R4, R5, R6, R8 및 R9 각각이 수소 원

자, 알킬기, 아릴기, 알콕시기, 아릴록시기 또는 할로겐 원자를 표현하는 것이 더 바람직하며; R1, R3, R4, R5, R6, R8 및 R9

각각이 수소 원자 또는 C1-12 알킬기를 표현하는 것이 보다 더 바람직하고; R1, R3, R4, R5, R6, R8 및 R9 각각이 수소 원자

또는 메틸을 표현하는 것이 훨씬 더 바람직하며; R1, R3, R4, R5, R6, R8 및 R9 각각이 수소 원자를 표현하는 것이 가장 바

람직하다.

공개특허 10-2007-0059163

- 23 -



R2가 수소 원자, 알킬기, 알케닐기, 알키닐기, 아릴기, 치환 또는 비치환 아미노기, 알콕시기, 아릴록시기, 히드록시기 또는

할로겐 원자를 표현하는 것이 바람직하고; R2가 수소 원자, C1-20 알킬기, C0-20 아미노기, C1-20 알콕시기, C6-12 아릴록

시기 또는 히드록시기를 표현하는 것이 더 바람직하며; R2가 수소 원자 또는 C1-12 알킬기를 표현하는 것이 보다 더 바람

직하고; R2가 C1-20 알콕시기를 표현하는 것이 훨씬 더 바람직하며; R2가 C1-12 알콕시기를 표현하는 것이 가장 바람직하

다.

R7이 수소 원자, 알킬기, 알케닐기, 알키닐기, 아릴기, 치환 또는 비치환 아미노기, 알콕시기, 아릴록시기, 히드록시기 또는

할로겐 원자를 표현하는 것이 바람직하고; R7이 수소 원자, C1-20 알킬기, C0-20 아미노기, C1-20 알콕시기, C6-12 아릴록

시기 또는 히드록시기를 표현하는 것이 더 바람직하며; R7이 수소 원자 또는 C1-20 (바람직하게 C1-12, 더 바람직하게 C1-

8, 훨씬 더 바람직하게 메틸) 알킬기를 표현하는 것이 보다 더 바람직하고; R7이 수소 원자 또는 메틸을 표현하는 것이 훨

씬 더 바람직하다.

식 (4-A)로 표현되는 화합물 중에서, 식 (4-B)로 표현되는 화합물이 바람직하다.

식 (4-B)

식에서, R10은 수소 원자, 치환 또는 비치환 알킬기, 치환 또는 비치환 알케닐기, 치환 또는 비치환 알키닐기, 또는 치환 또

는 비치환 아릴기를 나타낸다. R10으로 표현되는 치환체는 상기에 나타낸 치환체 T로부터 선택된다.

R10은 치환 또는 비치환 알킬기를 나타내는 것이 바람직하고; R10은 C5-20 치환 또는 비치환 알킬기를 나타내는 것이 더

바람직하고; R10은 n-헥실, 2-에틸헥실, n-옥틸, n-데실, n-도데실 또는 벤질과 같은 C5-12 치환 또는 비치환 알킬기를

나타내는 것이 보다 더 바람직하고; R10은 2-에틸헥실, n-옥틸, n-데실, n-도데실 또는 벤질과 같은 C6-12 치환 또는 비치

환 알킬기를 나타내는 것이 훨씬 더 바람직하다.

식 (4)로 표현되는 화합물은 일본 공개 특허공보 11-12219에 개시된 공지 방법으로 합성될 수 있다.

식 (4)로 표현되는 화합물의 구체적인 예가 아래에 나열될 것이며, 여기서 본 발명은 아래에 나열된 구체적인 예에 결코 제

한되지 않는다.
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파장 분산 조정제의 바람직한 다른 예 중에서 하나는, 하기 식(5)로 표현되는 시아노기를 함유하는 화합물이다.

식 (5)
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식에서, Q1 및 Q2는 독립적으로 방향족 고리를 나타낸다. X1 및 X2 각각은 수소 원자 또는 치환기를 나타내고, 그중 하나

는 시아노기, 카르보닐기, 술포닐기 또는 방향족 헤테로사이클을 나타낸다. Q1 및 Q2로 표현된 방향족 고리는 방향족 탄화

수소 고리 또는 방향족 헤테로사이클일 수 있다. 이것은 단일사이클이거나 또는 다른 고리와 응축된 고리를 더 형성할 수

있다.

방향족 탄화수소 고리는 바람직하게 6~30개의 탄소 원자수를 가지는 단일사이클 또는 이중사이클의 방향족 탄화수소 고

리이고 (예를 들어, 벤젠 고리, 나프탈렌 고리), 더 바람직하게 6~20개의 탄소 원자수를 가지는 방향족 탄화수소 고리이

며, 더 바람직하게 6~12개의 탄소 원자수를 가지는 방향족 탄화수소 고리이며, 보다 더 바람직하게 벤젠고리이다.

방향족 헤테로사이클은 바람직하게 질소원자-함유 또는 황원자-함유 방향족 헤테로사이클이다. 상기 헤테로사이클의 구

체적인 예는, 티오펜, 이미다졸, 피라졸, 피리딘, 피라진, 피리다진, 트리아졸, 트리아진, 인돌, 인다졸, 푸린, 티아졸린, 티

아졸, 티아디아졸, 옥사졸린, 옥사졸, 옥사디아졸, 퀴놀린, 이소퀴놀린, 프탈라진, 나프틸리딘, 퀴녹살린, 퀴나졸린, 신놀린,

프테리딘, 아크리딘, 페난트롤린, 페나진, 테트라졸, 벤지미다졸, 벤조옥사졸, 벤조티아졸, 벤조트리아졸 및 테트라자인덴

을 포함한다. 방향족 헤테로사이클은 바람직하게 피리딘, 트리아진 또는 퀴놀린이다.

Q1 및 Q2 각각은 바람직하게 방향족 탄화수소 고리를, 더 바람직하게 벤젠 고리를 나타낸다. Q1 및 Q2 각각은 치환기를 더

가질 수 있고, 상기 치환기는 바람직하게 상술된 치환기 T로부터 선택된다.

X1 및 X2 각각은 수소 원자 또는 치환기를 나타내고, 그 중 어느 하나는 시아노기, 카르보닐기, 술포닐기 또는 방향족 헤테

로사이클을 나타낸다. 상술된 치환기 T는 X1 및 X2로 표현된 치환기로 적용가능하다. X1 및 X2로 표현된 치환기는 다른

치환기로 더 치환될 수 있고, 또는 X1 및 X2는 다른 것과 응축되어 고리 구조를 형성할 수 있다.

X1 및 X2 각각은 바람직하게 수소 원자, 알킬기, 아릴기, 시아노기, 니트로기, 카르보닐기, 술포닐기 또는 방향족 헤테로사

이클이고, 더 바람직하게 시아노기, 카르보닐기, 술포닐기 또는 방향족 헤테로사이클이며, 보다 더 바람직하게 시아노기

또는 카르보닐기이고, 특히 바람직하게 시아노기 또는 알콕시카르보닐기 (-C(=O)OR, 여기서, R은 1~20개의 탄소 원자수

를 가지는 알킬기, 6~12개의 탄소 원자수를 가지는 아릴기, 및 그 조합이다) 이다.

식 (5)로 표현된 화합물 중에서, 식 (5-A)로 표현된 화합물이 바람직하다.

식 (5-A)

식에서, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9 및 R10은 각각 수소 원자 또는 치환기를 나타낸다. 치환기는 앞서 나타낸 치환

기 T로부터 선택된다. 치환기는 하나 이상의 치환기와 치환될 수 있거나 또는 다른 것과 결합하여 응축 고리를 형성할 수

있다. X1 및 X2 은 각각 식 (5)의 것과 동일하고 그 바람직한 범위 또한 동일하다.

R1, R2, R4, R5, R6, R7, R9 및 R10이 각각 수소 원자, 알킬기, 알케닐기, 알키닐기, 아릴기, 치환 또는 비치환 아미노기, 알

콕시기, 아릴록시기, 히드록시기 또는 할로겐 원자를 나타내는 것이 바람직하고; R1, R2, R4, R5, R6, R7, R9 및 R10이 각각

수소 원자, 알킬기, 아릴기, 알콕시기, 아릴록시기 또는 할로겐 원자를 나타내는 것이 더 바람직하며; R1, R2, R4, R5, R6,

R7, R9 및 R10이 각각 수소 원자 또는 C1-12 알킬기를 나타내는 것이 보다 더 바람직하고; R1, R2, R4, R5, R6, R7, R9 및

R10이 각각 수소 원자 또는 메틸을 나타내는 것이 훨씬 더 바람직하며; R1, R2, R4, R5, R6, R7, R9 및 R10이 각각 수소 원

자를 나타내는 것이 가장 바람직하다.
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R3 및 R8이 각각 수소 원자, 알킬기, 알케닐기, 알키닐기, 아릴기, 치환 또는 비치환 아미노기, 알콕시기, 아릴록시기, 히드

록시기 또는 할로겐 원자를 나타내는 것이 바람직하고; R3 및 R8이 각각 수소 원자, C1-20 알킬기, C0-20 아미노기, C1-20

알콕시기, C6-12 아릴록시기 또는 히드록시기를 나타내는 것이 더 바람직하고; R3 및 R8이 각각 수소 원자, C1-12 알킬기

또는 C1-12 알콕시기를 나타내는 것이 훨씬 더 바람직하며; R3 및 R8이 각각 수소 원자를 나타내는 것이 가장 바람직하다.

식 (5-A)로 표현된 화합물 중에서, 식 (5-B)로 나타낸 화합물이 더 바람직하다.

식 (5-B)

식에서, R3 및 R8은 각각 식 (5-A)의 것과 동일하고, 바람직한 범위 또한 동일하다. X3은 수소 원자 또는 치환기를 나타낸

다. 치환기는 앞서 보여준 치환기 T로부터 선택된다. 치환기는 하나 이상의 치환기와 치환될 수 있거나 다른 것과 결합하

여 응축 고리를 형성할 수 있다.

X3이 수소 원자, 알킬기, 아릴기, 시아노기, 니트로기, 카르보닐기, 술포닐기 또는 아릴 헤테사이클을 나타내는 것이 바람

직하고; X3이 시아노기, 카르보닐기, 술포닐기 또는 아릴 헤테로사이클을 나타내는 것이 더 바람직하고; X3이 시아노기 또

는 카르보닐기를 나타내는 것이 보다 더 바람직하며; X3이 시아노기 또는 알콕시카르보닐기, 즉 R이 C1-20 알킬기, C6-12

아릴기 또는 그 조합을 나타내는 -C(=O)OR를 나타내는 것이 훨씬 더 바람직하다.

식 (5-B)로 표현된 화합물 중에서, 식 (5-C)로 표현된 화합물이 더 바람직하다.

식 (5-C)

식에서, R3 및 R8은 각각 식 (5-A)의 것과 동일하고 그 바람직한 범위 또한 동일하다. R21은 C1-20 알킬기를 나타낸다.

R3 및 R8이 모두 수소 원자일 때, R21은 바람직하게 C2-12 알킬기를 나타내고, 더 바람직하게 C4-12 알킬기를 나타내며,

보다 더 바람직하게 C6-12 알킬기를 나타내고, 훨씬 더 바람직하게 n-옥틸, t-옥틸, 2-에틸헥실, n-데실 또는 n-도데실을

나타내며, 가장 바람직하게 2-에틸헥실을 나타낸다.

R3 또는 R8이 수소 원자가 아닐 때, R21은 바람직하게 20 이하의 탄소 원자를 가지는 알킬기로부터 선택되고, 그 결과 식

(5-C)로 표현되는 화합물의 분자량은 300 이상이다.

식 (5)로 표현된 화합물은 Journal of American Chemical Society, Vol. 63, p.3452, (1941)에 기재된 방법에 의해 합성

될 수 있다.

식 (5)로 표현된 화합물의 구체적인 예는 하기에 나열될 것이며, 본 발명은 결콘 하기에 나열된 구체적인 예에 한정되지 않

는다.
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《셀룰로오즈 아실레이트 필름의 제조》

셀룰로오즈 아실레이트 필름은 바람직하게 용매 캐스트 과정에 의해 제조된다. 용매 캐스트 과정에서, 필름은 셀룰로오즈

아실레이트를 유기 용매에 녹여 얻어진 용액 (도프) 을 사용하여 제조된다. 유기 용매는 바람직하게 3~12의 탄소 원자수

를 가지는 에테르, 3~12의 탄소 원자수를 가지는 케톤, 3~12의 탄소 원자수를 가지는 에스테르, 1~6 개의 탄소 원자수를

가지는 할로겐화 탄화수소로부터 선택된 용매를 함유한다. 상기 에테르, 케톤 및 에스테르는 사이클 구조를 가질 수 있다.

에테르, 케톤, 에스테르 (즉, -O-, -CO- 및 -COO-) 의 2 이상의 기능기를 가지는 임의 화합물이 또한 유기 용매로써 이

용가능하다. 유기 용매는 알콜릭 히드록실기와 같은 다른 기능기를 가질 수 있다. 2 이상의 기능기를 가지는 유기 용매는,

그 탄소 원자수가 상기 기능기 중 임의의 것을 가지는 화합물에 대한 특정 범위 이내에 있다면, 허용된다.

3~12의 탄소 원자수를 가지는 에테르의 예는 디이소프로필 에테르, 디메톡시 메탄, 디메톡시 에탄, 1,4-디옥산, 1,3-디옥

솔란, 테트라히드로푸란, 아니솔 및 페네톨을 포함한다. 3~12의 탄소 원자수를 가지는 케톤의 예는 아세톤, 메틸 에틸 케

톤, 디에틸 케톤, 디이소부틸 케톤, 사이클로헥사논 및 메틸 사이클로헥사논을 포함한다. 3~12의 탄소 원자수를 가지는 에

스테르의 예는 에틸 포르메이트, 프로필 포르메이트, 펜틸 포르메이트, 메틸 아세테이트, 에틸 아세테이트 및 펜틸 아세테

이트를 포함한다. 2이상의 기능기를 가지는 유기 용매의 예는 2-에톡시에틸 아세테이트, 2-메톡시 에탄올 및 2-부톡시

에탄올을 포함한다. 할로겐화 탄화수소의 탄소 원자수는 바람직하게 1 또는 2이고, 가장 바람직하게 1이다. 할로겐화 탄화

수소에서의 할로겐은 바람직하게 염소이다. 할로겐화 탄화수소에서 할로겐에 의한 수소 원자의 치환비는 바람직하게

25~75mol%이고, 더 바람직하게 30~70mol%이며, 보다 더 바람직하게 35~65mol%이며, 가장 바람직하게 40~60mol%

이다. 메틸렌 염화물은 대표적인 할로겐화 탄화수소이다. 유기 용매의 2종 이상을 혼합하는 것도 또한 허용된다.

셀룰로오즈 아실레이트 용액은 일반 방법으로 제조될 수 있다. 일반 방법은 0℃ 이상의 온도 (정온 또는 고온) 에서의 트리

트먼트를 의미한다. 용매는 일반 용매 캐스트 과정에서 도프를 제조한 방법 및 장치를 사용하여 제작될 수 있다. 일반 방법

에서, 유기 용매로서 할로겐화 탄화수소 (특히, 메틸렌 염화물) 를 사용하는 것이 바람직하다.

획득된 용액에 셀룰로오즈 아실레이트가 10~40중량% 포함되도록 하기 위해서 셀룰로오즈 아실레이트의 양이 조절된다.

셀룰로오즈 아실레이트 양을 10~30중량%로 조절하는 것이 더욱 바람직하다. 유기 용매 (주요 용매) 에 후술될 임의의 첨

가제가를 미리 첨가할 수 있다. 셀룰로오즈 아실레이트 및 유기 용매를 정온 (0~40℃)에서 교반하여 용액을 제조할 수 있
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다. 고농도 용매는 가압 및 가열 조건 하에서 교반될 수 있다. 더 구체적으로, 셀룰로오즈 아실레이트 및 유기 용매를 압력

용기에 놓고, 단단히 밀폐시키며, 정상 압력에서의 용매 끓는점보다 높은 온도에서 상기 혼합물을 가열하여 용매가 끓지

않도록 하면서 어떤 압력 하에서 교반한다. 기열 온도는 통상 40℃ 이상이고, 더 바람직하게 60~200℃이며, 보다 더 바람

직하게 80~110℃이다.

사전에 대략 혼합된 이후, 각 요소가 상기 용기에 배치되거나, 또는 연속적으로 상기 용기에 배치될 수 있다. 용기는 교반

할 수 있도록 구성되어야 한다. 용기는 질소 가스와 같은 불활성 가스를 주입함으로써 가압될 수 있다. 또한 가열되는 용매

의 증기압을 이용할 수 있다. 용매를 단단히 밀폐하는 것과, 이후 각 요소에 압력을 가하는 것 또한 허용된다. 가열은 바람

직하게 용기 외부에서 수행된다. 자켓-형 (jacket-type) 가열 장치를 사용할 수 있다. 또한 용기 외부에 가열판을 배치할

수 있고, 내부에 제공된 파이핑을 통해 유체를 흘림으로써 용기 전체 부분을 가열할 수 있다. 용기 내부에 교반 프로펠러를

제공하고, 교반시 그것을 사용하는 것이 바람직하다. 교반 프로펠러는 바람직하게 용기 벽에 충분히 닿을 정도의 길이를

가진다. 용기 벽에 액체 필름을 재생시키는 편의를 위해서, 교반 프로펠러 끝에 스크랩핑 블레이드를 부착하는 것이 바람

직하다. 또한 압력 게이지, 온도계 등과 같은 측정 장비를 용기에 설치할 수 있다. 각 요소는 용기 내부의 용매에 용해된다.

냉각 이후 제조된 도프가 용기로부터 인출되거나, 또는 먼저 인출된 후 열 교환기 등을 사용하여 냉각된다.

냉각 용해법에 의해서 용액을 또한 제조할 수 있다. 냉각 용해법은, 일반 용해법으로는 용해하기 어려운, 셀룰로오즈 아실

레이트를 유기 용매에 용해하는 것을 가능하게 한다. 비록 일반 용해법에 의해 용매가 셀룰로오즈 아실레이트를 용해할 수

있다고 하더라도, 냉각 용해법은 균질 용액을 빨리 획득하는데 또한 이롭다. 냉각 용해법에서, 먼저 셀룰로오즈 아실레이

트가 실온에서 교반되면서 유기 용매에 통상 첨가된다. 셀룰로오즈 아실레이트의 양은 바람직하게 조절하여, 결과 혼합물

이 10~40중량%의 셀룰로오즈 아실레이트를 포함하도록 한다. 셀룰로오즈 아실레이트의 양은 더 바람직하게 10~30중

량%이다. 혼합물에 후술될 임의의 첨가제가 미리 첨가될 수 있다.

이후, 혼합물이 -100~-10℃ (더 바람직하게 -80~-10℃, 보다 더 바람직하게 -50~-20℃, 그리고 가장 바람직하게 -

50~-30℃) 로 냉각된다. 냉각은 전형적으로 드라이아이스/메탄올 배쓰 (-75℃) 에서 냉각된 디에틸렌글리콜 용액 (-

30~-20℃) 에서 수행될 수 있다. 냉각은 셀룰로오즈 아실레이트 및 유기 용매의 혼합물을 고형화할 수 있다.

냉각비는 바람직하게 4℃/분 이상이고, 더 바람직하게 8℃/분 이상이며, 가장 바람직하게 12℃/분 이상이다. 더 빨리 할수

록 더 우수해지는데, 냉각비의 이론적 상한은 10,000℃/초이고, 그 기술적 상한은 1,000℃/초이며, 실제 상한은 100℃/초

이다. 냉각비는 냉각 이전 개시 온도와 냉각 이후 최종 온도 사이의 편차를, 냉각 개시에서 최종 냉각 온도가 얻어지는 냉

각 종결까지 요구되는 시간으로 나누어 획득한 수치를 말한다.

이후, 0~200℃ (더 바람직하게 0~150℃, 보다 더 바람직하게 0~120℃, 그리고 가장 바람직하게 0~50℃) 까지의 혼합물

가열은 셀룰로오즈 아실레이트가 유기용매에 용해되는 것을 가능하게 한다. 온도 상승은 혼합물을 실온에 두거나 또는 핫

배쓰에서 가열함으로써 간단히 얻을 수 있다.

가열비는 바람직하게 4℃/분 이상이고, 더 바람직하게 8℃/분 이상이며, 가장 바람직하게 12℃/분 이상이다. 더 빨리 할수

록 더 우수해지는데, 가열비의 이론적 상한은 10,000℃/초이고, 그 기술적 상한은 1,000℃/초이며, 실제 상한은 100℃/초

이다. 가열비는 가열 이전 개시 온도와 가열 이후 최종 온도 사이의 편차를, 가열 개시에서 최종 가열 온도가 얻어지는 가

열 종결까지 요구되는 시간으로 나누어 획득한 수치를 말한다.

이로써 균질 용액이 획득될 수 있다. 임의의 불충분한 용해는 반복적인 냉각 및 가열에 의해 해결될 수 있다. 용해가 충분

한지 아닌지의 여부는, 용액 외관의 육안 관찰에 의해 간단히 판단될 수 있다.

냉각 용해법에서, 물이 유입되는 것을 방지하기 위해서 공기로 꽉찬 용기를 사용하는 것이 바람직한데, 물은 냉각동안 이

슬 맺히게 할 수 있다. 냉각 및 가열 과정에서, 냉각 동안 가압 및 가열 동안 압력 저감은 용해화 시간을 단축하는데 좋다.

압력 용기의 사용은 가압 및 압력 저감을 수행하는 점에서 바람직하다.

메틸 아세테이트에 용해된 20중량% 셀룰로오즈 아실레이트 (아세틸화도: 60.9%, 점도 평균 중합도: 299) 의 시차 주사 열

량계 측정 (DSC, Differential scanning calorimetry) 은, 용액이 33℃ 근방에서 졸 상태와 겔 상태 사이에 유사 (pseudo)

상전이점을 보임을 드러내고, 상기 용액은 이 온도의 이하에서 겔 형태를 나타낼 있다. 따라서, 유사 상전이 온도 이상의

온도에서 용액을 보관하는 것이 필요하고, 더 바람직하게는 유사 상전이 온도보다 대략 10℃ 높은 온도에서 보관하는 것이

필요하다. 유사 상전이 온도는 셀룰로오즈 아실레이트의 아셀틸화도 및 점도 평균 중합도, 용액의 농도, 및 여기서 사용되

는 유기 용매에 따라 다를 것이다.
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셀룰로오즈 아실레이트 필름은 용매 캐스트 과정으로 이같이 제조된 셀룰로오즈 아실레이트 용액 (도프) 를 사용하여 생산

된다.

도프는 캐스트되어 드럼 또는 밴드 상에 도포되며, 용매는 필름을 형성하기 위해서 기화된다. 캐스트 이전의 도프 농도는

바람직하게 18~35%의 고형량을 가지기 위해서 조절된다. 드럼 또는 밴드 표면은 바람직하게 경면-마무리 (mirror-

finished) 된다. 용매 캐스트 과정에서 캐스트 및 건조는 미국 특허 제 2336310호, 제 2367603호, 제 2492078호, 제

2492977호, 제 2492978호, 제2607704호, 제 2739069호, 제 2739070호, 영국 특허 제 640731호 및 제 736892호의 각

특허 명세서, 그리고 일본 심사 특허 공보 제 45-4554호 및 제 49-5614호, 일본 공개 특허 공보 제 60-176834호, 제

60-203430호 및 제 62-115035호의 공개특허 명세서에 기재된다.

도프는 바람직하게 캐스트되어 10℃ 이하의 표면 온도를 가지도록 조건화된 드럼 도는 밴드 상에 도포된다. 2초 이상 동안

에어블로우 하에서 캐스트 도프를 건조하는 것이 바람직하다. 획득된 필름을 드럼 또는 밴드로부터 분리하는 것, 100에서

160℃까지 순차적으로 변하는 온도의 뜨거운 공기를 불어서 잔여 용매를 휘발하는 것이 또한 허용된다. 이 방법은 일본 심

사 특허 공보 제5-17844호에 기재된다. 이 방법은 캐스트에서 분리까지 요구되는 시간을 단축하게 한다. 이 방법을 효과

적으로 하기 위해서, 캐스트 및 도포 동안 드럼 도는 밴드의 표면 온도에서 도프가 겔화되는 것이 필요하다.

기계적 특성 및 건조율을 향상시키기 위해서 셀룰로오즈 아실레이트 필름에 가소제를 첨가할 수 있다. 인산 에스테르 또는

카르복실산 에스테르가 가소제로서 사용된다. 인산 에스테르의 예는 트리페닐 포스페이트 (TPP) 및 트리크레실 포스페이

트 (TCP) 를 포함한다. 카르복실산 에스테르로서는, 프탈릭 에스테르 및 시트리산 에스테르가 대표적이다. 프탈산 에스테

르의 예는 디메틸 프탈레이트 (DMP), 디에틸 프탈레이트 (DEP), 디부틸 프탈레이트 (DBP), 디옥틸 프탈레이트 (DOP),

디페닐 프탈레이트 (DPP) 및 디에틸헥실 프탈레이트 (DEHP) 를 포함한다. 시트르산 에스테르는 트리에틸 O-아세틸 시트

레이트 (OACTE) 및 트리부틸 O-아세틸 시트레이트 (OACTB) 를 포함한다. 카르복실산 에스테르의 다른 예는 부틸 올리

에이트, 메틸아세틸 리신놀리에이트, 디부틸 세바케이트, 및 다양한 트리메리트산 에스테르를 포함한다. 프탈산 에스테르

계 가소제 (DMP, DEP, DBP, DOP, DPP, DEHP) 가 바람직하게 사용된다. DEP 및 DPP가 특히 바람직하다.

가소제의 첨가량은 바람직하게 셀룰로오즈 에스테르 양의 0.1~25중량%, 더 바람직하게 1~20중량%, 가장 바람직하게

3~15중량%로 조절된다.

셀룰로오즈 아실레이트 필름에 열화 방지제 (일예로, 산화방지제, 과산화물 분해제, 라디칼 금지제, 금속 불활성제, 산 포

착제 (acid capture agent), 아민) 를 첨가할 수 있다. 열화 방지제는 일본 공개 특허 공보 제 3-199201호, 제 5-1907073

호, 제 5-194789호, 제 5-271471호, 제 6-107854호에 기재된다. 열화 방지제의 첨가량은, 첨가의 효과가 나타나도록

하고 필름 표면으로 나타나는 열화 방지제의 블리드-아웃 (스며 나옴) 을 억제한다는 점에서, 바람직하게 제조된 용액 (도

프) 의 0.01~1중량%로 조절되고, 더 바람직하게 0.01~0.2중량%로 조절된다. 열화 방지제의 특히 바람직한 예는 부틸화

히드록시톨루엔 (BHT) 및 트리벤질아민 (TBA) 를 포함한다.

《셀룰로오즈 아실레이트 필름의 연신》

셀룰로오즈 아실레이트 필름의 리타데이션은 연신에 의해 조절될 수 있다. 연신비는 바람직하게 3~100%이다.

연신 방법에는 특별한 제한이 없고, 임의의 공지방법이 적용가능하다. 텐터 연신이 면내 균일성이라는 점에서 특히 바람직

하다. 본 발명에 적용되는 셀룰로오즈 아실레이트 필름은 바람직하게 100cm의 폭을 가지고, ±5nm의 폭에 걸쳐서 더 바

람직하게 ±3nm에 걸쳐서 Re 수치 변동을 가진다. Rth 수치 변동은 바람직하게 ±10nm이고, 더 바람직하게 ±5nm이다.

또한 장축방향에서의 Re 수치 및 Rth 수치에서의 변동은 바람직하게 폭측 변동에 대한 것과 동일한 범위에 있다.

연신은 필름 형성 과정동안 수행될 수 있고, 형성이후 말아감겨진 필름이 연신될 수 있다. 앞선 경우에서, 잔여용매의 일정

량을 포함하면서 필름이 연신될 수 있으며, 필름은 2~30%의 잔여 용매량 하에서 바람직하게 연신된다. 이 경우, 필름을

그 장축방향으로 전달하고, 그와 동시에 장축방향에 수직한 방향으로 연신하는 것이 바람직하고, 그것에 의해 필름의 지상

축이 그 장축방향에 수직한 방향으로 얼라인한다.

연신 온도는 연신동안의 잔여 용매량과 두께에 따라 적절히 선택될 수 있다. 잔여 용매를 포함하는 연신된 필름은 바람직

하게 연신 이후 건조된다. 건조 방법은 상술된 필름 생산에서 적용된 것과 유사할 수 있다.
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연신된 셀룰로오즈 아실레이트 필름의 두께는 바람직하게 110㎛ 이하이고, 더 바람직하게 40~110㎛이며, 훨씬 더 바람직

하게 60~110㎛이고, 가장 바람직하게 80~110㎛이다.

《셀룰로오즈 아실레이트 필름의 표면처리》

셀룰로오즈 아실레이트 필름으로 구성된 광학 보상 필름이 편광판의 투명 보호필름으로 적용되는 경우, 셀룰로오즈 아실

레이트 필름은 바라직하게 표면 처리된다. 표면 처리는 코로나 방전 처리, 글로우 방전 처리, 염 처리, 산 처리, 알칼리 처리

또는 자외선 조사 처리일 수 있다. 산 처리 또는 알칼리 처리를 수행하는 것이 특히 바람직하며, 알칼리 처리는 셀룰로오즈

아실레이트에 대한 비누화 처리이다.

상술한 바와 같이, 2이상의 방향족 고리 및 직선 구조를 가지고, 그리고 40~110㎛ 두께와 본 발명에서 광학 보상필름에

대해 요구되는 광학 특성을 가지는 는 막대형 화합물을 포함하는, 연신된 셀룰로오즈 아실레이트 필름은, 광학 보상필름으

로 사용될 수 있다.

이하, 본 발명이 적용된 VA 모드 액정표시장치의 실시형태를 도 9를 참고로 하여 서술할 것이다.

[액정표시장치]

도 9에 도시된 액정표시장치는 그 사이에 액정셀 (16~18) 을 유지하기 위해서 배치된 상부 편광필름 (11) 및 하부 편광필

름 (101) 을 포함하고, 상기 상부 편광필름 (11) 과 액정셀 (16~18) 사이에는 광학 보상필름 (15) 이 배치되며, 하부 편광

필름(101) 과 액정셀 (16~18) 사이에는 광학 보상필름 (19) 이 배치된다. 상술한 바와 같이, 구성에 따라 광학 보상필름

(15) 및 광학 보상필름 (19) 중 어느 하나만 사용할 수 있다. 각 편광 필름 (11, 101) 은 한쌍의 투명 필름에 의해 보호되고,

이중에서 도 9는 액정셀과 더 가까운 측면에 배치된 투명 보호필름 (13, 103) 만 도시한 반면, 액정셀로부터 멀리 떨어져

배치된 투명 보호필름의 도시는 생략한다. 또한 단일 필름만으로 광학 보상필름 (15) 및 투명 보호필름 (13) 양측 기능을

가지는 것이 허용된다. 마찬가지로, 단일 필름만으로 광학 보상필름 (19) 및 투명 보호필름 (103) 양측 기능을 가지는 것이

또한 허용된다.

액정셀은 상부 기판 (16) 및 하부 기판 (18), 및 그 사이에 형성되어 액정분자 (17) 를 포함하는 액정층으로 구성된다. 각

기판 (16, 18) 은 액정분자 (17) 에 대향하는 표면 (이하, 경우에 따라 "내부 표면"이라고 칭함) 에 형성된 배향막 (미도시)

을 포함하고, 그것에 의해 액정분자 (17) 가 전압 무인가시 또는 저전압 인가시 수직으로 배향하도록 제어된다. 기판 (16,

18) 의 내부 표면 각각은, 그 위에 형성된, 액정분자 (17) 로 구성된 액정층을 통해 전압을 인가할 수 있는 투명 전극 (미도

시) 을 가진다. 본 발명에서, 액정층의 두께 d(㎛) 및 굴절률 이방성 △n의 곱인 △n·d가 바람직하게 0.1~1.0㎛로 조절된

다. △n·d의 최적값은 더 바람직하게 0.2~1.0㎛로 조절되고, 보다 더 바람직하게 0.2~0.5㎛로 조절된다. 이들 범위는 화

이트-레밸 디스플레이에서의 고휘도와 블랙 상태에서 저휘도를 보장하고, 밝기와 고-콘트라스트 표시장치를 제공할 수

있다. 채용되는 액정재료에는 특별한 제한이 없고, 인가된 전계에 수직하도록 액정분자 (17) 가 응답하는, 음의 유전이방

성을 가지는 임의의 액정재료가 상,하부 기판 (16, 18) 사이에 전계가 인가되는 실시형태에 사용된다. 또한 전극이 기판들

(16, 18) 중 어느 하나에만 형성된 경우, 양의 유전 이방성을 가지는 액정재료를 사용할 수 있고, 전계는 기판 표면에 평행

하게 인가된다.

액정셀이 VA모드 액정셀로 구성되는 예시적인 경우, 예를 들어, 상,하부 기판 (16, 18) 사이에 음의 유전 이방성, 대략

△ε=-4.6 및 대략 △n=0.0813 을 가지는 네마틱 액정재료를 사용할 수 있다. 액저층의 두께 d는 특별히 제한되지 않으나,

상술된 범위의 특성을 가지는 액정층이 채용된 경우 대략 3.5㎛로 설정될 수 있다. 화이트 상태의 밝기는 화이트 상태에서

의 두께 d(㎛) 및 굴절률 이방성 △n의 곱인 △n·d에 따라서 달라지고, 그 결과 최대 밝기를 얻고자 하는 점에서, 0.2~0.5

㎛의 범위로 △n·d를 설정하는 것이 바람직하다.

VA 모드 액정표시장치에, TN 모드 액정표시장치에서 통상 사용되는 카이랄 물질을 첨가하는 것은 드문데, 그 이유는 카

이랄 도펀트가 동적 응답 특성을 저하시키지만, 배향 실패를 줄이고자 하는 목적 때문에 가끔 첨가된다. 멀티도메인 구조

의 채용은 서로 인접하는 도메인의 경계영역에서의 액정분자 배향을 조절하는데 이롭다. 멀티도메인 구조는 액정표시장치

의 일 화소가 복수의 도메인으로 분할되는 구조를 말한다. 예를 들어, VA 모드 액정셀은 화이트 상태에서 경사진 액정분자

를 가지고, 이것은 경사진 방향에서 관측된 액정분자 (17) 의 복굴절성의 차이 때문에 디스플레이를 경사진 방향에서 그리

고 대칭 방향에서 관찰할 때 휘도 및 색상톤의 비균일성을 야기하나, 반면에 멀티도메인 구조의 채용은 휘도와 색상톤에

따라 시야각을 향상시킨다는 점에서 바람직하다. 더 구체적으로, 액정분자의 초기 배향 상태가 서로 다른 2이상 (바람직하
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게 4 또는 8) 의 도메인을 가지는 각 픽셀의 구성를 통한 평균은 시야각에 의존하는 휘도 및 색상톤의 불균일성을 감소시

킬 수 있다. 전압인가 하에서 액정분자의 배향방향이 연속적으로 변할 수 있는, 서로 다른 2이상의 도메인을 사용하여 각

픽셀을 구성함으로써 비슷한 효과를 또한 얻을 수 있다.

하나의 픽셀 내에서 액정분자 (7) 의 배향 방향이 다른 복수의 도메인은, 전계방향을 다르게 하기 위해서 또는 전계의 비균

일성을 형성하도록, 통상 전극에 슬릿 또는 돌출부를 제공하는 방법에 의해서 형성될 수 있다. 모든 방향에서 시야각을 균

등하게 하기 위해서 분할 수를 증가시키는 것이 좋으며, 4등분 또는 8등분 이상이 거의 등분된 시야각을 얻는데 충분할 것

이다. 특히, 편광판의 흡수축이 임의 각으로 설정될 수 있기 때문에 8등분이 바람직하다. 액정분자 (7)은 모든 인접하는 도

메인의 경계 영역에서 덜 응답적이다. 이것은 블랙 상태가 유지되는 VA모드와 같은 노멀리-블랙 모드에서 휘도저하의 문

제를 일으킨다. 따라서, 모든 인접하는 도메인 사이의 경계영역을 축소시키기 위해서 액정재료에 카이랄제를 첨가하는 것

이 가능하다. 반면에, 노멀리-화이트 모드는 화이트 상태가 유지되기 때문에 전면에서의 콘트라스트를 저하시킨다. 따라

서, 블랙 매트릭스와 같은, 상기 영역을 커버하는 광 차단층을 제공하는 것이 바람직하다.

액정층과 더 까가운 측면에 배치된, 편광필름 (11) 및 편광필름 (101) 의 보호필름의 지상축 (13, 103) 은 실질적으로 서로

평행하거나 또는 직교하는 것이 바람직하다. 투명 보호필름 (13, 103)의 지상축 (13a, 103a) 직교 배치는 액정층에 수직으

로 입사하는 빛의 광학 특성 저하를 감소시킬 수 있는데, 그 이유는 두 광학 필름의 복굴절성이 상쇄되기 때문이다. 지상축

(13a, 103a) 의 평행배치는 이들 보호필름의 복굴절 특성을 활용하여 임의의 잔여 리타데이션을 보상시킬 수 있다.

편광필름 (11, 101) 의 흡수축 (12, 102) 방향, 보호필름 (13, 103) 의 지상축 (13a, 103a) 방향, 및 액정분자 (17) 의 배향

방향은, 각 구성요소를 구성하는데 사용되는 물질, 표시 모드 및 상기 구성요소의 적층 구조에 따라서, 최적 범위내에서 조

절될 수 있다. 즉, 편광필름 (11) 의 흡수축 (12) 및 편광필름 (101) 의 흡수축 (102) 은 실질적으로 서로 직교한다. 하지만,

본 발명의 액정표시장치는 이러한 구성에 한정되지 않다.

각 편광필름 (11, 101) 과 액정셀 사이에 배치된 광학 보상필름 (15, 19) 은 광학 보상필름이며, 상술한 바와 같이, 통상 복

굴절 폴리머 필름으로 구성되거나 또는 투명 지지체 및 상기 지지체 상에 형성되고 액정분자를 포함하는 광학 이방성필름

의 적층체로 구성된다. 광학 보상필름 (15) 의 면내 지상축 (15a) 은 실질적으로 근접하게 배치된 편광필름 (11) 의 흡수축

(12) 에 직교하는 것이 바람직하다. 마찬가지로, 광학 보상필름 (19) 의 면내 지상축 (19a) 은 실질적으로 근접하게 배치된

편광필름 (101) 의 흡수축 (102) 에 직교하는 것이 바람직하다. 이들 관계에 따른 배치에서, 광학 보상필름 (15, 19) 은 수

직 입사광과 관련하여 빛샘없이 리타데이션을 야기하고, 비스듬한 입사광과 관련하여 본 발명의 효과를 충분히 나타낼 수

있다.

보호필름 (13, 15) 의 Re 및 Rth 값이 모두 0nm 아닌 경우, 보호필름은 광학 보상력을 가질 수 있다. 이 경우, 광학 보상필

름의 Re 및 Rth를 보상하는 것이 또한 가능하다.

액정셀 기판 (16, 18) 의 각 투명 전극 (미도시) 에 구동 전압이 인가되지 않는 비동작 상태에서, 액정층의 액정분자 (17)

는 기판 (16, 18) 표면에 대해 거의 수직으로 배열되어, 그것을 통과하는 빛의 편광상태가 거의 변하지 않는다. 흡수축 (12,

102) 이 서로 직교하기 때문에 저면 (일예로, 배면 전극 상에서) 으로부터 입사되는 광이 편광필름 (101) 에 의해 편광되

고, 편광상태를 유지한 채로 액정셀 (16~18) 을 통과하고, 그리고 편광필름 (11) 에 의해 차광된다. 즉, 도 9에 도시된 액

정표시장치는 전압 무인가 또는 저전압 인가시 블랙 상태일 수 있다. 반대로, 투명 전극 (미도시) 에 구동 전압이 인가될

때, 기판 (16, 18) 의 표면에 대해서 액정분자 (17) 가 틸트되고, 이와같이 틸트된 액정분자 (17) 에 의해 그것을 통과하는

광이 편광상태로 바뀐다. 따라서, 저면 (일예로, 배면 전극 상에서) 으로부터 입사되는 광이 편광필름 (101) 에 의해서 편

광되고, 액정셀 (16~18) 을 통과한 후 그 편광 상태가 더욱 바뀌고, 편광필름 (11) 을 통과하게 된다. 즉, 전압 인가시, 화

이트 상태가 얻어진다.

VA모드의 장점은 고 콘트라스트에 있다. 하지만, 종래의 VA모드 액정표시장치는 전면에서의 고 콘트라스트에도 불구하

고, 비스듬한 시야에서의 저 콘트라스트 문제를 안고 있다. 블랙 상태에서의 액정분자 (17) 는 기판 (16, 18) 표면에 대해

수직으로 배향되어, 액정분자 (17) 는 고 콘트라스트를 보장하면서, 전면에서 거의 복굴절성을 보이지 않고, 낮은 투과성

을 제공한다. 하지만, 액정분자 (17) 는 비스듬한 시야에서 복굴절성을 보인다. 또한, 전면 시야에서 90°로 직교하는, 상,하

부 편광필름 (11, 101) 의 흡수축 (12, 102) 사이의 교차각은 비스듬한 시야에서 90°이상이 된다. 이러한 2가지 요인 때문

에, 종래의 표시장치는 비스듬한 방향에서의 빛샘을 야기하는 문제점과 저하된 콘트라스트를 가진다. 반대로, 도 9에서와

같은 구성을 가진 본 발명의 액정표시장치는 액정층 (7) 의 광학 특성과 관련하여 특정 조건을 만족하는 광학 특성의 광학

보상필름 (15, 19) 을 사용하며, 그것에 의해 블랙 상태에서 비스듬한 방향에서의 빛샘을 성공적으로 저감하고 콘트라스트

를 향상시킨다.
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본 발명의 액정표시장치는 도 8에 도시된 구성에 한정되지 않으며, 다른 구성 요소를 포함할 수 있다. 예를 들어, 액정셀과

편광필름 사이에 컬러필터가 배치될 수 있다. 또한, 액정표시장치가 투과형일 때, 그 배면 상에 냉음극 (cold-cathode) 또

는 열음극 (hot-cathod) 형광체 튜브, 광 방출 다이오드, 전계방출장치, 또는 전계발광장치를 사용한 백라이트를 배치할

수 있다.

본 발명의 액정표시장치는 이미지 직시형, 이미지 투사형 및 광 조절형을 포함한다. 본 발명의 특히 효과적인 실시형태는

능동 매트릭스 액정표시장치에 TFT 또는 MIM이 적용되는 것과 같은 3단자 또는 2단자 반도체 장치이다. 물론, 본 발명의

장치가 시간-공유 동작에 기초한 STN형 장치로 대표되는 수동 매트릭스 액정표시장치에 적용된 실시형태도 또한 효과적

이다.

이하, 본 발명의 액정표시장치에 적용되는 다른 다양한 구성요소들의 광학특성, 원재료, 제조 방법 등을 더 상세히 설명할

것이다.

[편광판]

본 발명에서, 편광필름 및 사이에 상기 편광필름을 유지하는 한쌍의 보호필름을 포함하는 편광판을 사용할 수 있다. 예를

들어, 폴리비닐 알콜 필름 등으로 형성된 편광필름을 요오도로 염색하고, 상기 필름을 연신하고, 그 양면에 보호필름을 적

층함으로써 얻어진 편광판을 사용할 수 있다. 편광판은 액정셀의 외부에 배치된다. 편광필름 및 사이에 상기 편광필름을

유지하는 한쌍의 보호필름으로 각각 구성된, 한쌍의 편광판을 그 사이에 액정셀을 유지할 수 있도록 배치하는 것이 바람직

하다.

《보호필름》

본 발명에 적용가능한 편광판은 편광필름의 양면에 적층된 한쌍의 보호필름을 가지는 것이다. 보호필름 종류에는 특정한

제한이 없고, 보호필름의 적용가능한 예는 셀룰로오즈 아세테이트, 셀룰로오즈 아세테이트 부틸레이트 및 셀룰로오즈 프

로피오네이트와 같은 셀룰로오즈 에스테르; 폴리카보네이트; 폴리올레핀, 폴리스티렌 및 폴리에스테르를 포함한다. 상술

한 바와 같이, 광학 보상필름과 보호필름 양자로 기능할 수 있도록, 광학 보상필름에 요구되는 광학 특성을 만족하는 폴리

머 필름을 또한 사용할 수 있다.

보호필름은 일반적으로 롤 형태로 제공되므로, 양자의 장축 방향을 일치시키면서 그것을 긴 편광필름에 연속적으로 결합

시키는 것이 바람직하다. 보호필름의 배향축 (지상축) 은 임의 방향으로 배열될 수 있는데, 작업의 편의상 장축 방향에 평

행하도록 배열된다.

사이에 편광필름을 가지는 보호필름은, 지상축이 면내 평균 굴절률을 최대화하는 방향과 실질적으로 일치하는 것을 사용

하여 구성될 수 있다. 더 구체적으로, 하나 이상의 보호필름은 서로 직교하는 x-, y- 및 z-축 각 방향에서의 3개의 평균 굴

절률 nx, ny 및 nz을 가지고, nx 및 ny는 면내 평균 굴절률이고, nz는 두께 방향 평균 굴절률이며, nx, ny=nz, nx>nz의 관

계를 만족하는 필름이거나; 또는 nx=ny, nz, nx>ny의 관계를 만족하는 필름일 수 있다. 상술한 바와 같이, 보호필름이 광

학 보상기능을 가지는 경우, 450nm에서의 Re/Rth (450nm) 의 비가 550nm에서의 Re/Rth (550nm) 보다 0.4~0.95배 크

고, 650nm에서의 Re/Rth (650nm) 는 550nm에서의 Re/Rth (550nm) 보다 1.05~1.9배 큰 것이 바람직하며, 두께방향 리

타데이션 Rth는 70~400nm의 범위이다.

반면에, 보호필름이 광학 보상필름의 역할을 하지 않는 실시형태에서는, 투명 보호필름의 리타데이션이 작은 것이 바람직

하다. 편광필름의 투과축과 투명 보호필름의 배향축이 평행하지 않는 실시형태에서는, 편광축과 투명 보호필름의 배향축

(지상축) 의 비스듬한 불일치 때문에, 미리 결정된 값보다 더 큰 투명 보호필름의 리타데이션값이 원하지 않게 선편광을 타

원 편광으로 변환한다고 통상 신뢰된다. 따라서, 632.8nm에서의 투명 보호필름의 리타데이션이 통상 10nm 이하인 것이

바람직하고, 5nm 이하인 것이 더 바람직하다. 여기서 바람직하게 사용가능한 작은 리타데이션을 가지는 폴리머 필름은 셀

룰로오즈 트리아세테이트, 제오넥스 (Zeonex), 제오노르 (Zeonor) (둘다 Zeon Corporation 제작) 및 ARTON (JSR

Corporation 제작) 과 같은 폴리올레핀을 포함한다. 다른 바람직한 예는, 일예로 일본 공개 특허 공보 제 8-110402호 또

는 제 11-293116호에서 기재된 바와 같이, 복굴절 광학 수지 물질을 포함한다. 지지체 및 상기 지지체 상에 형성된 액정

성 화합물로 구성된 광학 이방성필름을 포함하는 적층체가 실시형태에서 광학 보상필름으로 사용되는 경우, 보호필름은

광학 이방성필름의 지지체의 역할을 또한 할 수 있다.
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하나 이상의 보호필름 (액정표시장치에 통합될 때 액정셀에 근접하게 배치된 것) 의 지상축 (배향축) 이 편광필름의 흡수

축 (연신축) 에 교차하도록, 보호필름을 편광필름에 접착시킴이 바람직하다. 더 구체적으로, 편광필름의 흡수축과 보호필

름의 지상축 사이의 각은 바람직하게 10~90°, 더 바람직하게 20~70°, 보다 더 바람직하게 40~50°, 그리고 특히 바람직

하게 43~47°의 범위이다. 다른 보호필름의 지상축과 편광필름의 흡수축 사이의 각에 대한 특별한 제한은 없으며, 편광판

의 목적에 따라서 적절히 설정될 수 있으며, 다만 상술한 범위를 만족하는 것이 바람직하고, 한쌍의 보호필름의 지상축이

서로 일치하는 것이 또한 바람직하다.

보호필름의 지상축과 편광필름의 흡수축의 평행 배열은 치수 변화 및 컬링 (curling) 을 방지하는 것과 같은 편광판의 기계

적 안정성을 향상시키는데 이롭다. 편광필름 및 한 쌍의 보호필름의 3개 필름 중 2개 이상의 축, 즉, 보호필름 1개의 지상

축과 편광필름의 흡수축, 또는 보호필름 2개의 지상축들이 실질적으로 서로 평행하다면 동일한 효과를 얻을 수 있다.

《접착제》

편과필름과 보호필름 사이에 적용되는 접착제에 대한 특별한 제한은 없으며, 다만 그 바람직한 예는 PVA계 수지 (아세토

아세틸기, 술폰산기, 카르복실기, 옥시알킬렌기 등에 의해 변형된 개질 PVA를 포함) 및 붕소 화합물 수용액을 포함하며,

그 중에서 PVA계 수지가 바람직하다. 접착제의 건조 필름 두께는 바람직하게 0.01~10㎛이고, 특히 바람직하게 0.05~5

㎛이다.

《편광필름과 투명 보호필름의 연속 제조 공정》

본 발명에 적용가능한 편광필름은 편광필름 제조용 필름을 연신하고, 휘발성분을 감소시키기 위해서 그것을 수축시키며,

여기서, 건조중 또는 건조 이후 적어도 그 일표면 상에 투명 보호필름을 결합시키는 것이 바람직하며, 그리고 상기 적층체

를 후-가열함으로써 제조된다. 또한 투명 보호필름이 광학 이방성필름의 지지체 역할을 하는 실시형태에서, 후-가열은 바

람직하게 투명보호필름이 편광필름의 일표면 상에 접착된 이후 수행되고, 그리고 그 위에 형성된 광학 이방성필름을 가지

는 투명 지지체는 반대표면에 접착된다. 구체적인 접착 방법은, 건조 이후 절단 (slit-off) 될 필름의 양모서리를 잡은채 필

름의 건조 공정 동안 접착제를 사용하여 투명 보호필름을 편광필름에 접착하는 방법; 및 편광필름 제조용 필름을 건조하

고, 건조 이후 모서리 홀더로부터 상기 필름을 박리시키며, 상기 필름의 양 모서리를 절단시키고, 투명 보호필름을 접착시

키는 방법을 포함한다. 절단 (slitting) 방법은 일반적으로 적용되는 것으로, 칼날을 사용하는 방법 및 레이저를 이용한 절

단 방법을 포함한다. 접착 이후, 접착제를 건조하고 편광 특성을 향상시키기 위해서 바람직하게 결과물이 가열된다. 가열

조건은 접착제에 따라 달라질 수 있으며, 수(水)계 접착제는 30℃ 이상의 온도가 바람직하고, 40~100℃가 더 좋으며,

50~90℃가 보다 더 좋다. 이들 공정 단계는 제품 성능 및 공정 효율 면에서 연속 라인에서 수행되는 것이 더 바람직하다.

《편광판 성능》

투명 보호필름, 편광자 및 투명 지지체를 포함하는 본 발명의 편광판의 광학 특성 및 내구성 (단기간 및 장기간 내구성) 은

상업용 수퍼 고 콘트라스트 제품 (일예로, Sanritz Corporation 제작 HLC2-5618) 의 성능과 동일하거나 보다 더 우수하

다. 더 구체적으로, 편광판은 바람직하게 42.5% 이상의 가시광 투과성과, {(Tp-Tc)/(Tp+Tc)}1/2≥0.9995 (여기서, Tp

는 평행한 투과성이고, Tc는 수직한 투과성이다) 의 중합도와, 500시간 동안 90%RH, 60℃에 방치하고 500시간 동안 건

조한 대기에서 80℃에 방치한 전후에 대해서 절대값으로 3%이하, 더 바람직하게 1% 이하의 광 투과율의 변화와, 그리고

절대값으로 1% 이하, 더 바람직하게 0.1% 이하의 편광도 변화율을 가진다.

실시예

하기 단락들은 실시예와 관련하여 본 발명 더 구체적으로 서술할 것이다. 이하 실시예에서 보여주는 재료, 시약, 사용량 및

사용비율, 조작 등은 본 발명의 정신을 벗어나지 않는 범위에서 수정될 수 있다. 따라서, 본 발명은 하기에 기재된 특정 실

시예에 한정되지 않는다.

[실시예 1]

도 9에 도시된 것과 유사한 구성을 가지는 액정표시장치가 제조되었다. 더 구체적으로, 액정표시장치가 시인자 측면 (상

부) 에서부터 볼 때, 상부 편광판 (보호필름 (미도시), 편광필름 (11), 보호필름 (13)), 광학 보상필름 (15) (또한 보호필름

(13) 역할을 수행함), 액정셀 (상부기판 (16), 액정층 (17), 하부기판 (18)), 광학 보상필름 (19) (또한 보호필름 (103) 역할
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을 수행함), 하부 편광판 (편광필름 (101), 보호필름 (미도시))의 순서대로 적층되도록 구성되었으며, 거기에 배치된 백라

이트 광원 (미도시) 이 추가 구성되었으며, 그리고 그 효과를 확인하기 위해서 상기 장치는 광학 시물레이션되었다.

Shintech, Inc.로부터 제작된 LCD 마스터 6.08 버전을 사용하여 광학 추정을 수행했다. 액정셀, 전극, 기판, 편광판 등은

종래 액정표시장치에 사용되던 것들이다. 여기서 사용되는 액정셀, 전극, 기판, 편광판 등의 등급은, 변형 없이 종래 액정

표시장치에 사용되던 것들이었다. 여기서 사용되는 액정재료는 △ε=-4.2의 음의 유전 이방성을 가지는 것이었다. 여기서

사용되는 액정셀은 89.9°의 프리틸트각을 가지고 거의 수직 배향하고, 3.6㎛의 기판 사이의 셀갭을 가지며, 그리고

450nm에서 318nm, 550nm에서 300nm, 650nm에서 295nm의 액정층 리타데이션값 (즉, 액정층의 두께 d(㎛) 및 굴절률

이방성 △n의 곱인 △n·d 값) 을 가지는 것이었다. 각 파장에서의 광학 보상필름 (15, 19) 의 Re 및 Rth 값은 표 1에 기록된

것으로 설정되었다. 여기서 사용된 광원은 LCD 마스터에 부착된 C 라이트였다.

백라이트와 시인자 사이의 위치관계가 위아래 바뀌더라도, 도 9에서와 같이 구성된 액정표시장치는 완전히 동일한 효과를

제공할 수 있다.

비교예에서와 같이, 액정표시장치는 Re 및 Rth가 파장과 무관하게 일정한 광학 보상필름 (15, 19) 을 사용하는 것을 제외

하고 상술한 바와 유사하게 구성되었고, 상기 액정표시장치는 유사하게 광학 시물레이션 되었다. 종래 광학 보상 기술이

광학 보상필름의 Re 및 Rth의 파장 분산을 고려하지 않기 때문에, 비교예는 종래기술로 간주될 수 있다.

<액정표시장치로부터의 누출광 측정>

상술한 수치를 적용한 광학 시물레이션에 기초하여 누출광의 산출 결과를 표 1에 나타낸다. 표 1에서, 액정표시장치 No. 1

은 상술한 비교예에 해당하고, 액정표시장치 Nos. 2~6은 실시예에 해당한다.

[표 1] : 방위각=45° 및 극각=60°인 시야각에서의 블랙 상태 투과율 (%)
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표 1의 결과로부터, △nd/λ=0.707의 액정층과 450nm에서 Re/λ=0.056~0.113 및 Rth/λ=0.291~0.329인 광학 보상필름

을 포함하고, 그리고 △nd/λ=0.454의 액정층과 650nm에서 Re/λ=0.089~0.129 및 Rth/λ=0.165~0.189인 광학 보상필

름을 포함하는, 본 발명에 의한 액정표시장치 Nos. 2~6 모두가 비교예에 해당하는 액정표시장치 No. 1과 비교하여 극각

=60°인 블랙 상태에서 보다 작은 투과율을 나타냈음을 알 수 있다. 또한, 표 1의 결과로부터, 최소 투과율은 450nm에서

Re/λ=0.073 및 Rth/λ=0.311, 550nm에서 Re/λ=0.095 및 Rth/λ=0.233, 그리고 650nm에서 Re/λ=0.108 및 Rth/

λ=0.177이었음을 알 수 있다.

또한, 표 1의 시물레이션 결과로부터, 관계식 (Ⅰ) ~ (Ⅳ) 을 만족하는 액정표시장치 Nos. 2~6 모두가 상기 관계식을 만족

하지 않는 액정표시장치 No. 1과 비교하여 극각=60°인 블랙 상태에서 보다 작은 투과율을 나타냈음을 알 수 있다.

[실시예 2]

리타데이션값이 450nm에서 371nm로, 550nm에서 350nm로, 650nm에서 344nm로 바뀐 것을 제외하고, 실시예 1과 유

사한 조건하에서, LCD 마스터를 사용하여 액정표시장치의 광학 특성을 추정하였다. 광학 보상필름 (15, 19) 의 Re 및 Rth

가 표 2에 기록된다.
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비교예에서와 같이, 액정표시장치는 Re 및 Rth가 파장과 무관하게 일정한 광학 보상필름 (15, 19) 을 사용하는 것을 제외

하고 상술한 바와 유사하게 구성되었고, 상기 액정표시장치는 유사하게 광학 시물레이션 되었다. 종래 광학 보상 기술이

광학 보상필름의 Re 및 Rth의 파장 분산을 고려하지 않기 때문에, 비교예는 종래기술로 간주될 수 있다.

<액정표시장치로부터의 누출광 측정>

상술한 수치를 적용한 광학 시물레이션에 기초하여 누출광의 산출 결과를 표 2에 나타낸다. 표 2에서, 액정표시장치 No. 7

은 상술한 비교예에 해당하고, 액정표시장치 Nos. 8~12는 실시예에 해당한다.

[표 2] : 방위각=45° 및 극각=60°인 시야각에서의 블랙 상태 투과율 (%)

표 2의 결과로부터, △nd/λ=0.824의 액정층과 450nm에서 Re/λ=0.044~0.089 및 Rth/λ=0.355~0.405인 광학 보상필름

을 포함하고, 그리고 △nd/λ=0.529의 액정층과 650nm에서 Re/λ=0.078~0.115 및 Rth/λ=0.216~0.233인 광학 보상필

름을 포함하는, 본 발명에 의한 액정표시장치 Nos. 8~12 모두가 비교예에 해당하는 액정표시장치 No. 7과 비교하여 극각
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=60°인 블랙 상태에서 보다 작은 투과율을 나타냈음을 알 수 있다. 또한, 표 2의 결과로부터, 최소 투과율은 450nm에서

Re/λ=0.067 및 Rth/λ=0.38, 550nm에서 Re/λ=0.082 및 Rth/λ=0.28, 그리고 650nm에서 Re/λ=0.097 및 Rth/λ=0.255

이었음을 알 수 있다.

또한, 표 2의 시물레이션 결과로부터, 관계식 (Ⅰ) ~ (Ⅳ) 을 만족하는 액정표시장치 Nos. 8~12 모두가 상기 관계식을 만

족하지 않는 액정표시장치 No. 7과 비교하여 극각=60°인 블랙 상태에서 보다 작은 투과율을 나타냈음을 알 수 있다.

[실시예 3]

광학 필름 (15) 을 사용하는 것을 제외하고 도 9에 도시된 것과 유사한 구성을 가지는 액정표시장치의 광학특성을, LCD

마스터를 사용하여 추정하였다. 더 구체적으로, 시인자 측면 (상부) 에서부터 볼 때, 상부 편광판 (보호필름 (미도시), 편광

필름 (11), 보호필름 (13)), 액정셀 (상부기판 (16), 액정층 (17), 하부기판 (18)), 광학 보상필름 (19) (또한 보호필름 (103)

으로 사용됨), 및 하부 편광판 (편광필름 (101), 보호필름 (미도시))의 순서대로 배치되었으며, 백라이트 광원 (미도시) 이

추가 배치되었다. 광학 보상필름 (19) 의 Re 및 Rth는 표 3에 기록된다. 상부 편광판의 보호필름 (3) 이 Rth=38nm 및

Re=0nm 를 가지도록 조절되었다. 백라이트 측면에 광학 보상필름이 배치되는 실시예 3은 백라이트와 시인자 사이의 위치

관계가 위아래 바뀌더라도 완전히 동일한 효과를 제공할 수 있다. 다른 조건은 실시예 1과 동일하다.

비교예에서와 같이, 액정표시장치는 Re 및 Rth가 파장과 무관하게 일정한 광학 보상필름 (19) 을 사용하는 것을 제외하고

상술한 바와 유사하게 구성되었고, 상기 액정표시장치는 유사하게 광학 시물레이션 되었다. 종래 광학 보상 기술이 광학

보상필름의 Re 및 Rth의 파장 분산을 고려하지 않기 때문에, 비교예는 종래기술로 간주될 수 있다.

<액정표시장치로부터의 누출광 측정>

상술한 수치를 적용한 광학 시물레이션에 기초하여 누출광의 산출 결과를 표 3에 나타낸다. 표 3에서, 액정표시장치 No.

13은 상술한 비교예에 해당하고, 액정표시장치 Nos. 14~18은 실시예에 해당한다.

[표 3] : 방위각=45° 및 극각=60°인 시야각에서의 블랙 상태 투과율 (%)
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표 3의 결과로부터, △nd/λ=0.707의 액정층과 450nm에서 Re/λ=0.082~0.133 및 Rth/λ=0.513~0.531인 광학 보상필름

을 포함하고, 그리고 △nd/λ=0.454의 액정층과 650nm에서 Re/λ=0.123~0.163 및 Rth/λ=0.332~0.357인 광학 보상필

름을 포함하는, 본 발명에 의한 액정표시장치 Nos. 14~18 모두가 비교예에 해당하는 액정표시장치 No. 13과 비교하여 극

각=60°인 블랙 상태에서 보다 작은 투과율을 나타냈음을 알 수 있다. 또한, 표 3의 결과로부터, 최소 투과율은 450nm에서

Re/λ=0.107 및 Rth/λ=0.54, 550nm에서 Re/λ=0.125 및 Rth/λ=0.424, 그리고 650nm에서 Re/λ=0.146 및 Rth/λ=0.351

이었음을 알 수 있다.

또한, 표 3의 시물레이션 결과로부터, 관계식 (Ⅴ) ~ (Ⅷ) 을 만족하는 액정표시장치 Nos. 8~12 모두가 상기 관계식을 만

족하지 않는 액정표시장치 No. 13과 비교하여 극각=60°인 블랙 상태에서 보다 작은 투과율을 나타냈음을 알 수 있다.

[실시예 4]

리타데이션값이 450nm에서 371nm로, 550nm에서 350nm로, 650nm에서 344nm로 바뀐 것을 제외하고, 실시예 3과 유

사한 조건하에서, LCD 마스터를 사용하여 액정표시장치의 광학 특성을 추정하였다. 광학 보상필름 (9) 의 Re 및 Rth가 표

4에 기록된다.

비교예에서와 같이, 액정표시장치는 Re 및 Rth가 파장과 무관하게 일정한 광학 보상필름 (19) 을 사용하는 것을 제외하고

상술한 바와 유사하게 구성되었고, 상기 액정표시장치는 유사하게 광학 시물레이션 되었다. 종래 광학 보상 기술이 광학

보상필름의 Re 및 Rth의 파장 분산을 고려하지 않기 때문에, 비교예는 종래기술로 간주될 수 있다.
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<액정표시장치로부터의 누출광 측정>

상술한 수치를 적용한 광학 시물레이션에 기초하여 누출광의 산출 결과를 표 4에 나타낸다. 표 4에서, 액정표시장치 No.

19는 상술한 비교예에 해당하고, 액정표시장치 Nos. 20~24는 실시예에 해당한다.

[표 4] :방위각=45° 및 극각=60°인 시야각에서의 블랙 상태 투과율 (%)

표 4의 결과로부터, △nd/λ=0.824의 액정층과 450nm에서 Re/λ=0.059~0.115 및 Rth/λ=0.634~0.69인 광학 보상필름

을 포함하고, 그리고 △nd/λ=0.529의 액정층과 650nm에서 Re/λ=0.099~0.141 및 Rth/λ=0.416~0.427인 광학 보상필

름을 포함하는, 본 발명에 의한 액정표시장치 Nos. 20~24 모두가 비교예에 해당하는 액정표시장치 No. 19와 비교하여 극

각=60°인 블랙 상태에서 보다 작은 투과율을 나타냈음을 알 수 있다. 또한, 표 4의 결과로부터, 최소 투과율은 450nm에서

Re/λ=0.087 및 Rth/λ=0.662, 550nm에서 Re/λ=0.105 및 Rth/λ=0.507, 그리고 650nm에서 Re/λ=0.12 및 Rth/λ=0.422

이었음을 알 수 있다.

또한, 표 4의 시물레이션 결과로부터, 관계식 (Ⅴ) ~ (Ⅷ) 을 만족하는 액정표시장치 Nos. 20~24 모두가 상기 관계식을 만

족하지 않는 액정표시장치 No. 19와 비교하여 극각=60°인 블랙 상태에서 보다 작은 투과율을 나타냈음을 알 수 있다.

[실시예 5]
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광학 필름 (15) 을 사용하지 않는 것을 제외하고 도 9에 도시된 것과 유사한 구성을 가지는 액정표시장치의 광학특성을,

LCD 마스터를 사용하여 추정하였다. 더 구체적으로, 시인자 측면 (상부) 에서부터 볼 때, 상부 편광판 (보호필름 (미도시),

편광필름 (11), 보호필름 (13)), 액정셀 (상부기판 (16), 액정층 (17), 하부기판 (18)), 광학 보상필름 (19) (또한 보호필름

(103) 으로 사용됨), 및 하부 편광판 (편광필름 (101), 보호필름 (미도시))의 순서대로 배치되었으며, 백라이트 광원 (미도

시) 이 추가 배치되었다. 광학 보상필름 (19) 의 Re 및 Rth는 표 5에 기록된다. 다른 구성요소는 실시예 1에 기재된 것과

동일하고, 상부 편광판의 보호필름 (3) 은 Re 및 Rth가 거의 0nm인 지극히 작은 리타데이션을 가지는 필름으로 제공된다.

비교예에서와 같이, 액정표시장치는 Re 및 Rth가 파장과 무관하게 일정한 광학 보상필름 (19) 을 사용하는 것을 제외하고

상술한 바와 유사하게 구성되었고, 상기 액정표시장치는 유사하게 광학 시물레이션 되었다. 종래 광학 보상 기술이 광학

보상필름의 Re 및 Rth의 파장 분산을 고려하지 않기 때문에, 비교예는 종래기술로 간주될 수 있다.

<액정표시장치로부터의 누출광 측정>

상술한 수치를 적용한 광학 시물레이션에 기초하여 누출광의 산출 결과를 표 5에 나타낸다. 표 5에서, 액정표시장치 No.

25는 상술한 비교예에 해당하고, 액정표시장치 Nos. 26~30은 실시예에 해당한다.

[표 5] :방위각=45° 및 극각=60°인 시야각에서의 블랙 상태 투과율 (%)
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표 5의 결과로부터, △nd/λ=0.707의 액정층과 450nm에서 Re/λ=0.067~0.116 및 Rth/λ=0.624~0.669인 광학 보상필름

을 포함하고, 그리고 △nd/λ=0.454의 액정층과 650nm에서 Re/λ=0.098~0.142 및 Rth/λ=0.411~0.422인 광학 보상필

름을 포함하는, 본 발명에 의한 액정표시장치 Nos. 26~30 모두가 비교예에 해당하는 액정표시장치 No. 25와 비교하여 극

각=60°인 블랙 상태에서 보다 작은 투과율을 나타냈음을 알 수 있다. 또한, 표 5의 결과로부터, 최소 투과율은 450nm에서

Re/λ=0.089 및 Rth/λ=0.651, 550nm에서 Re/λ=0.104 및 Rth/λ=0.5, 그리고 650nm에서 Re/λ=0.12 및 Rth/λ=0.415이

었음을 알 수 있다.

또한, 표 5의 시물레이션 결과로부터, 관계식 (Ⅴ) ~ (Ⅷ) 을 만족하는 액정표시장치 Nos. 26~30 모두가 상기 관계식을 만

족하지 않는 액정표시장치 No. 25와 비교하여 극각=60°인 블랙 상태에서 보다 작은 투과율을 나타냈음을 알 수 있다.

[실시예 6]

리타데이션값이 450nm에서 371nm로, 550nm에서 350nm로, 650nm에서 344nm로 바뀐 것을 제외하고, 실시예 5와 유

사한 조건하에서, LCD 마스터를 사용하여 액정표시장치의 광학 특성을 추정하였다. 광학 보상필름 (19) 의 Re 및 Rth가

표 6에 기록된다.

비교예에서와 같이, 액정표시장치는 Re 및 Rth가 파장과 무관하게 일정한 광학 보상필름 (19) 을 사용하는 것을 제외하고

상술한 바와 유사하게 구성되었고, 상기 액정표시장치는 유사하게 광학 시물레이션 되었다. 종래 광학 보상 기술이 광학

보상필름의 Re 및 Rth의 파장 분산을 고려하지 않기 때문에, 비교예는 종래기술로 간주될 수 있다.

<액정표시장치로부터의 누출광 측정>

상술한 수치를 적용한 광학 시물레이션에 기초하여 누출광의 산출 결과를 표 6에 나타낸다. 표 6에서, 액정표시장치 No.

31은 상술한 비교예에 해당하고, 액정표시장치 Nos. 32~36은 실시예에 해당한다.

[표 6] :방위각=45° 및 극각=60°인 시야각에서의 블랙 상태 투과율 (%)
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표 6의 결과로부터, △nd/λ=0.824의 액정층과 450nm에서 Re/λ=0.057~0.104 및 Rth/λ=0.73~0.79인 광학 보상필름을

포함하고, 그리고 △nd/λ=0.529의 액정층과 650nm에서 Re/λ=0.089~0.126 및 Rth/λ=0.483~0.493인 광학 보상필름을

포함하는, 본 발명에 의한 액정표시장치 Nos. 32~36 모두가 비교예에 해당하는 액정표시장치 No. 31과 비교하여 극각

=60°인 블랙 상태에서 보다 작은 투과율을 나타냈음을 알 수 있다. 또한, 표 6의 결과로부터, 최소 투과율은 450nm에서

Re/λ=0.08 및 Rth/λ=0.76, 550nm에서 Re/λ=0.095 및 Rth/λ=0.585, 그리고 650nm에서 Re/λ=0.107 및 Rth/λ=0.488

이었음을 알 수 있다.

또한, 표 6의 시물레이션 결과로부터, 관계식 (Ⅴ) ~ (Ⅷ) 을 만족하는 액정표시장치 Nos. 32~36 모두가 상기 관계식을 만

족하지 않는 액정표시장치 No. 31과 비교하여 극각=60°인 블랙 상태에서 보다 작은 투과율을 나타냈음을 알 수 있다.

[관련 출원에 대한 상호참조]

이 출원은 2004년 9월 22일에 출원된 일본 특허 출원 제 2004-274770호의 우선권 이익을 청구한다.

도면의 간단한 설명

도 1은 종래의 VA 모드 액정표시장치의 예시적인 구성을 설명하는 개략도이다;
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도 2는 종래의 VA 모드 액정표시장치의 예시적인 구성을 설명하는 개략도이다;

도 3은 본 발명의 제 1 실시형태에 따른 VA 모드 액정표시장치의 예시적인 구성을 설명하는 개략도이다;

도 4는 본 발명의 다른 실시형태에 따른 VA 모드 액정표시장치의 예시적인 구성을 설명하는 개략도이다;

도 5는 본 발명에 사용되는 예시적인 광학 보상필름의 광학 특성을 나타내는 그래프이다;

도 6은 본 발명의 예시적인 액정표시장치에서 입사광의 편광 상태를 설명하기 위한 푸앵카레 스페어 (poincare sphere)

의 개략도이다;

도 7은 본 발명의 다른 예시적인 액정표시장치에서 입사광의 편광 상태를 설명하기 위한 푸앵카레 스페어의 개략도이다;

도 8은 본 발명의 또다른 예시적인 액정표시장치에서 입사광의 편광 상태를 설명하기 위한 푸앵카레 스페어의 개략도이

다; 그리고

도 9는 본 발명의 액정표시장치의 예시적인 구성의 개략도이다.

상기 도면에서 사용되는 참조 부호는 다음과 같다:

1 편광판;

2 편광판;

3 액정셀;

4, 5, 6 광학 보상필름;

11, 101 편광 필름;

12, 102 흡수축;

13, 103 보호필름;

13a, 103a 면내 지상축;

15, 19 광학 보상필름;

15a, 19a 면내 지상축;

16, 18 기판; 그리고

17 액정성 분자.

도면
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도면1

도면2

도면3
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도면4

도면5

도면6
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도면7

도면8

도면9
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